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Relatorio Descritivo da Patente de Invengao péra "APARELHO
E METODO PARA FABRICAGCAO DE UM PRODUTO DE SEGURANCA™.

A presente invengado refere-se a um meétodo de impressao, um
aparelho para impress3do e a produtos obtidos a partir dos mesmos. Em par-
ticular, a presente invengdo refere-se a imagens opticamente variaveis ou
dispositivos aplicados a substratos, tais como um holograma, cinegrama e
semelhantes. Mais particularmente, a presente invengéo refere-se a redes
de linha reta ou de difragao submicroscépicés, holograficas, de feixe de elé-
trons, mecanicamente processadas ou outras.

O uso de padrdes de rede de difragcdo e imagens as quais inclu-
em um dispositivo opticamente variavel 'submicroscépico, holografico, cine-

grafico e outros, especialmente sobre documentos, cédulas bancarias, car-

tdes de crédito e embalagem para fins decorativos e de seguranga tem se

tornado lugar comum. Todavia, a despeito de tal uso popular, a utilizagao de
padrées e imagens é onerosa e envolve a fabricacdo de um padrdo ou ima-
gem em uma operagao e, em uma segunda operacéo distinta, o padrao ou
imagem é transferida, aderida ou laminada ao substrato, documento ou arti-
go pretendido, exemplos dos quais s&o: cédulas bancarias, cheques, vales
presente, cartdes de crédito/débito, protecdo de marcas de seguranga e sis-
temas de rotulo de ndo-segurancga e artigos de embalagem.

Padrées de difragdo de luz tridimensionais, tal como um holo-
grama, s&o o resultado de interferéncia de dois feixes de luz coerente em um
angulo finito um com o outro sobre um meio fotossensivel. Um feixe € um
feixe de referéncia e o outro interage com o objeto cuja imagem tem de ser
registrada. O holograma resultante é feito tendo a informagdo de imagem
registrada como variagdes de superficie do meio holografico. Uma placa
mestre de transferéncia mais rigida € subsequentemente feita para formar
imagens holograficas repetidas.

Existem muitos métodos para originar um dispositivo opticanﬁen-
te variavel submicroscopico ou holografico baseado em placas de vidro de
flutuagdo revestidas, expostas & luz coerente, as quais foram manualmente

cofrelacionadas ou correlacionadas por computador, na forma de um padrao
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microscopico de franjas. Esse € fabricado copiando uma rede de difracdo
submicroscopica ou holografica original. Uma placa de transferéncia que
contém a estrutura submicroscépica é usada para produzir uma copia mes-
tre de metal de niquel. Geragdes subsequentes de placas ou cunhas podem,
entdo, ser desenvolvidas, através de eletroformacao.

A US 4.913.858 descreve um método de gravagdo em relevo de
imagens de padrido de difragdo holograficas sobre um filme plastico ou um
revestimento plastico de um substrato. O substrato é fornecido com um re-
vestimento de um material termossensivel tendo propriedades termoplasti-
cas, aquecido para amolecer o revestimenio usando um cilindro aquecido
sozinho ou em combinagdo com aquecedores de infravermelho e subse-
quentemente gravado em relevo para formar uma rede de difragdo. A super-
ficie revestida €, entdo, metalizada através de depdsito de um revestimento
de metal sobre a rede de difragdo. O padrao de difragao obtido a partir de tal
metodo pode ser defeituoso, levando-se em conta distor¢goes na rede em
virtude de pressdo excessiva aplicada ao rolo de gravagao em relevo para
formar a rede ou, se o material termossensivel € muito aquecido, havera al-
guma aderéncia do revestimento ao rolo de gravagédo em relevo. Evidente-
mente, para uma rede de difracdo holografica, quaisquer distor¢gSes na rede
afetardo adversamente a qualidade da imagem do holograma.

A US 4.728.377 descreve um material em folha laminado tendo
uma camada de suporte, um revestimento de liberacdo que cobre a camada
de suporte, uma ou mais camadas de material termoplastico por cima do
revestimento de liberagdo e menos sensiveis ao calor do que o revestimento
de liberagdo e uma camada de folha de metal ligada a superficie da camada
termoplastica. Para formar a rede de difragdo, uma matriz € impressa na fo-
lha. A folha é, entdo, coberta com um adesivo, a folha laminada invertida e
comprimida contra o artigo ao qual a rede de difragdo tem de ser presa u-
sando uma placa de pressdo aquecida, pelo que apenas a area do material
de folha sob a placa de pressdo adere ao artigo e se separa da camada de
suporte em virtude de fusdo do revestimento de liberagdo. Quando a cama-

da de suporte é levantada do substrato, a folha e as camadas termoplasticas
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fraturam ao longo das bordas da placa de pressdo.

A US 5.087.510 descreve hologramas tendo uma superficie de
metal padronizada em relevo depositada a vapor sobre um substrato polimé-
rico padronizado em relevo.

Todos esses documentos descrevem a formacgado de uma cama-
da de metal para proporcionar um brilho semelhante a espelho, melhorar a
visibilidade da imagem, na qual um padrdao em relevo na superficie € grava-
do usando elementos de gravagdo em relevo aquecidos. Se um padrédo me-
talizado distinto é desejado, a superficie toda é métalizada, seguido por en-
talhe do metal indesejado usando um agente de entalhe adequado, tal como
um acido. Subsequentemente, em uma operacado distinta, o holograma é
aderido ou laminado ao documento ou artigo pretendido.

Os métodos descritos aqui acima requerem uma quantidade sig-
nificativa de depdsito de metal para proporcionar o efeito de brilho e, levan-
do-se em conta a camada de metal depositada, a imagem pode ser vista
apenas a partir da superficie ndo metalizada do substrato.

A US 5.549.774 descreve o deposito de tinta metalica sobre uma
folha filmica transparente ou translicida a qual tem um padrdo gravado em
relevo, formada através de compressao da folha em contato com uma cunha
de gravacao em relevo de niquel aquecida em alta pressao sobre uma su-
perficie e, subsequentemente, em uma operacgdo distinta, ligacdo de uma
folha de revestimento tendo informacgéo visual a folha gravada em relevo.

Conforme descrito acima, a aplicagdo de alta pressdo e calor
pode afetar adversamente a integridade da rede de difragao.

A operacgao distinta de ligagédo de uma folha de revestimento,
isto &, o substrato ao qual o holograma tem de ser aplicado, a folha filmica
gravada em relevo reduz a velocidade de fabricagcdo e pode criar outras difi-
culdades, uma vez que a folha filmica gravada em relevo e a folha de reves-
timento devem ser cuidadosamente alinhadas de modo a prevenir o pdsicio-
namento incorreto do material gravado em relevo.

Alem disso, a aplicacdo de alta pressao e calor para gravar em

relevo uma folha filmica, conforme descrito na US. 5.549.774, reduz signifi-



10

15

20

25

30

cativamente a velocidade de fabricagao. Os fabricantes tém pensado ha mui-
to como superar os problemas associados a técnica anterior com pouco ou
nenhum sucesso.

O W02005051675 descreve um método e aparelho para imprimir
um dispositivo opticamente variavel sobre produtos filmicos transparentes.
Em contraste, a presente invengdo proporciona um meétodo para impressao
e um aparelho para aplicjagéo de um dispositivo opticamente variavel e ou-
tras estruturas de lente e gravadas, em linha, em velocidades de gravagao
normais em conjunto com multiplas outras cores em um passe, sobre papel,
aluminio e todos os tipos de outros substratos opacos por meio do aparelho
Unico descrito abaixo.

Vantajosamente, a presente invengdo supera ou alivia um ou
mais dos problemas associados a técnica anterior.

De acordo com um primeiro aspecto da presente invengao, é
proporcionado um meétodo para formagdo de uma imagem opticamente vari-
avel sobre um substrato compreendendo as etapas de:

A) aplicagdo de um composto ou composicdo curavel a pelo me-
nos uma porgéo do substrato;

B) contato de pelo menos uma porgédo do composto curavel com
meios de formagao de imagem opticamente variavel;

C) cura do composto curavel e

D) opcionalmente depdsito de uma tinta metalica sobre pelo me-
nos uma porgéo do composto curado,
em que o meio de formacdo de imagem opticamente variavel compreende:

a) um veiculo transparente,

b) um material transparente o qual traz uma imagem opticamen-
te variavel a ser aplicada e

C) meios para secar ou curar um verniz.

Vantajosamente, a presente invengdo proporciona um metodo
de fabricacdo para transferir € opcionalmente metalizar uma imagem opti—
camente variavel (submicroscopica), tal como uma rede de difragdo hologra-

fica ou outra, diretamente sobre uma superficie e para fazer isso com alta
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produtividade e baixo custo.

Em uma modalidade preferida, o meio de formagado de imagem
opticamente variavel compreende:

a) um cilindro transparente de quartzo,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie do cilin-

dro de quartzo,
c) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-

dro transparente.

Se 0 método é usado para formagao de um produto de seguran-
¢ca, ele pode compreender as etapas de:

A) fornecimento de uma folha de material de base, a referida
folha tendo uma superficie superior e inferior e sendo um componente do
produto de seguranca;

B) formagdo de uma imagem opticamente variavel sobre pelo
menos uma porg¢ao da superficie superior do material de base; e

C) deposito de uma tinta metalica sobre pelo menos uma porgéao
da imagem opticamente variavel.

De acordo com um outro aspecto da presente invencao, € pro-
porcionado um método em linha de impressdo sobre um substrato usando
um prelo convencional junto com meios para formagao de uma imagem opti-
camente variavel, compreendendo as etapas de:

A) formacdo de uma imagem opticamente variavel sobre uma
porcéao distinta do substrato; e

B) depdsito de uma tinta metalica sobre pelo menos uma porgao
da imagem opticamente variavel.

Além disso, seria vantajoso formar a imagem opticamente varia-
vel em registro diretamente sobre o substrato ao qual a imagem (submicros-
copica) tem de ser aplicada.

De acordo com um outro aspecto da presente invengéo, € pro-
porcionado um aparelho para formagdo de um produto (seguranga) compre-

endendo um prelo e um meio de formacao de imagem opticamente variavel,
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em que o meio de formacgéo de imagem opticamente varidvel compreende:

a) um transportador transparente,

b) um material transparente o qual traz uma imagem opticamen-
te variavel a ser aplicada e

C) meios para secar ou curar um verniz.

O veiculo transparente é, de preferéncia, um cilindro ou uma
placa.

Em uma modalidade preferida, o meio de formacédo de imagem
opticamente variavel compreende: ' '

a) um cilindro transparente de quartzo,

b) um material plastico transparente que transmite a imagem
opticamente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie do

cilindro de quartzo,
C) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-

dro transparente.

Em uma modalidade especialmente preferida, uma Iémpada' uv
€ montada em um cilindro de quartzo resfriado a agua com uma lente inte-
gral para polarizar ou concentrar a luz UV na area de estreitamento; o ponto
no qual o papel ou outro substrato opaco revestido com o iniciador de UV
entra em contato com a cunha/placa transparente, a qual tem as imagens
opticamente variaveis mantidas sobre sua superficie e montada sobre um
cilindro plastico transparente feito de policarbonato ou composto similar. A
cunha clara que transmite a imagem opticamente variavel a ser aplicada é
presa a esse rolo. Varios rolos poderiam ser proporcionados, de modo que
imagens alternadas possam ser pré-montadas para lidar com diferentes di-
ametros com diferentes repetigdes ou ter sistemas para registrar a imagem a
imprimir.

O prelo pode compreender qualguer um ou mais de um sistema
de alimentacdo; meios para transmissdo de uma imagem a ser impressa;
meios para aplicar uma tinta; meios para secar ou curar a tinta; meios para

transporte do produto impresso (seguranga).
O sistema de alimentacdo pode ser um sistema de alimentacao
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de folha ou trama.
O meio para transmissdo de uma imagem pode compreender

um conjunto de cilindros ou uma placa. Em uma modalidade, fazendo uso de
impressdo GRAVURA, o meio para transmissdo de uma imagem compreen-
de uma pluralidade de cilindros, cada um dos quais traz uma imagem grava-
da para cada tinta colorida usada. Cada cilindro ou placa para depdsi-
to/aplicagdo de uma cor é denominado uma unidade de impressado. Pode
existir qualquer nimero de unidades de impressdo. De preferéncia, contudo,
existem entre 1 e 10.

O meio para transporte do produto de seguranga pode compre-
ender um sistema de distribuigdo para empilhamento de folhas ou contencao
de bobinas acabadas.

Em uma modalidade preferida, o prelo compreende, em linha, o
meio de formacédo de imagem opticamente variavel para transferir a imagem
opticamente variavel para um substrato.

Os métodos acima podem todos compreender subsequente im-
pressao do material de base ou substrato com tintas pigmentadas. Alternati-
vamente, os métodos podem todos compreender a pré-etapa de impressao
do material de base ou substrato com tintas pigmentadas.

Em uma modalidade, o material de base ou substrato € papel.

De acordo com um outro aspecto da presente invencgdo, é pro-
porcionado um meétodo para formacdo de uma rede de difracdo holografica
sobre um substrato compreendendo as etapas de:

A) depdsito, sobre pelo menos uma porgao do substrato, de uma
composigdo compreendendo uma tinta metalica misturada com um compos-
to curavel;

B) formacdo de uma rede de difragdo sobre pelo menos uma
porgdo da composi¢ao.

De acordo com um outro aspecto da presente invencdo, é pro-
porcionado um método para formacdo de uma rede de difragao holografica

compreendendo as etapas de:
A) fornecimento de uma folha de material de base;
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B) depdsito de um revestimento de liberagdo sobre pelo menos
uma porcao do material de base;

C) deposito de um composto ou composicdo curavel sobre pelo
menos uma porgao do material de base revestido;

D) formagédo de uma rede de difragdo sobre pelo menos uma
porgdo do composto ou composigio curavel;

E) opcionalmente deposito de uma tinta metalica sobre pelo me-
nos uma porcgéo da rede de difragdo; e

F) depodsito de um adesivo sobre pelo menos uma porgao da
tinta metalica.

A presente invengdo proporciona métodos de transferéncia de
uma imagem opticamente variavel (OVI), tal como uma rede de difragdo de
imagem submicroscopica ou holografica e opcionalmente por meio de im-
pressdo de uma tinta, para formar uma folha composta a qual, quando vista
de pelo menos uma superficie do substrato ou material de base, revela os
padrdes ou imagens de rede de difragido submicroscoépicas ou holograficas.

O padrao ou imagem acabada pode ser totalmente impressa
com a tinta metalica ou ter graus de densidade de tinta os quais permitem
um efeito de metalizacdo parcial da imagem ou padrao, desse modo, a im-
pressao ou texto pode ser prontamente vista através da imagem quando a-
plicada a um substrato de papel, metal ou filmico, para uso em produtos de
seguranga tais como cédulas bancarias, documentos de identificagdo tais
como passaportes, cartdes de identificagéo, licengas de motorista ou outros
documentos de verificacdo, produtos farmacéuticos, vestuario, software,
compact discs, tabaco e outros produtos propensos a falsificacdo ou forja,
para proteger os mesmos de conversdo fraudulenta, desvio de ateng¢éo, isto
€, pegar um produto que seria vendido em um mercado e vendé-lo em outro
ou imitacdo.

As redes de difragdo de imagens submicroscopicas, holograficas
ou outras podem ser transferidas para a superficie do substrato especifica-

mente em registro ou aleatoriamente para subsequente registro adicional de

unidades de impressio extras.
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Uma vez que a imagem/padrdo tenha sido tornado visivel atra-
vés de sobre-impressdo da tinta metalica, a imagem/padrao nao pode ser
transferido novamente para outra superficie se ndo depositando primeiro um
revestimento de liberagédo antes de formagado da imagem opticamente varia-
vel e estampando a quente convencionalmente o substrato, quer baseado
em papel ou filmico.

A tinta metalica proporciona uma base reflexiva para o substrato.
De preferéncia, tinta suficiente € depositada em um passe sobre prelos de
trama larga ou estreita para fornecer uma base reflexiva. O prelo compreen-
de, de preferéncia em linha, um aparelho para transferir as OVls, tais como
redes de difragdo submicroscopicas, holograficas ou outras.

Em linha é definido aqui como impressdo em um passe, uma
operagao imediatamente ap0s a seguinte sobre a mesma parte da maquina-
ria que é aparafusada junto. Off-line € definido como um processo totalmente
separado realizado em outra parte do equipamento.

Em uma modalidade, o substrato é pré-impresso. Pré-impressao
do substrato pode ser realizada separadamente, off-line, sobre outro equi-
pamento de impressdo dedicado ou em linha sobre o aparelho de acordo
com a presente invencgéo, isto €, uma tinta colorida ou metalica é depositada
sobre um substrato, sobre o qual a imagem opticamente variavel é formada;
antes de formacgao da imagem opticamente variavel sobre pelo menos uma
porcao da tinta colorida ou metalica.

Um exemplo de uma tinta metalica adequada para uso nos mé-
todos e aparelho da presente invencao € descrito no W02005049745.

De preferéncia, a espessura da tinta metalica, quando deposita-
da sobre um substrato, é suficientemente fina de modo a permitir a transmis-
sdo de luz através da mesma. Consequentemente, a tinta metalica pode ser
impressa sobre o substrato sobre um padrdo ou imagem de rede de difragcéo
holografica ou submicroscépica, de modo que o padrdo ou imagem de rede
de difracdo possa ser visivel através das superficies superior e inferior do

substrato.
De preferéncia, quando o substrato trazendo a imagem ou pa-
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drdo metalizado é subsequentemente depositado sobre gravuras e/ou texto
impresso ou o substrato € pré-impresso com gravuras e/ou texto e a imagem
ou padrdo metalizado € depositado sobre os mesmos, aquelas caracteristi-
cas impressas sao visiveis através do substrato e/ou o dispositivo ou ima-
gem opticamente variavel revestida de tinta metalica.

De preferéncia, a espessura da imagem ou dispositivo optica-
mente variavel metalizado é tal de modo a fornecer uma densidade Optica na
faixa de transmissédo de luz. Densidades 6pticas da camada de tinta metalica

podem ser medidas através do Densitdmetro de Macbeth apresentadas na

tabela a seguir:

Unidades de densidade 6ptica de Macbeth Transmissao percentual
0,10 79,43
0,20 63,10
0,30 50,12
0,40 39,81
0,50 31,61

De preferéncia, o percentual de transmissao de luz é de pelo
menos 30%. Mais preferivelmente, o percentual de transmissdo de luz € de
pelo menos 50%, mais preferivelmente 80%.

O aparelho pode compreender meios para mover continuamente
o substrato, por exemplo, um alimentador de substrato. O substrato pode
compreender qualquer material em folha. O substrato pode ser opaco, subs-
tancialmente transparente ou transldcido, em que o método da presente in-
vencdo € especialmente adequado para opacos (substratos né&o-
transparentes). O substrato pode compreender papel, couro, 'tecidos, tais
como seda, algodao, Tyvac, material ou metal filmico, tal como aluminio. O
substrato pode estar na forma de uma ou mais folhas ou uma trama.

O substrato pode ser feito por molde, tecido, ndo-tecido, fundi-
¢éo, calandrado, sopro, extrudado e/ou biaxialmente extrudado.

O substrato pode compreender papel, tecido, fibras feitas pelo
homem e compostos poliméricos. O substrato pode compreender qualquer
um ou mais selecionados do grupo compreendends pape!, papeis feilcs de

polpa de madeira ou algoddo ou fibras soltas de madeira sintética e papelao.
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O papel/papelao pode ser revestido, calandrado ou vitrificado em uma ma-
quina; revestido, ndo-revestido, feito em molde com um teor de algodao ou
denim, Tyvac, linho, algoddo, seda, couro, tereftalato de polietileno, propa-
filme de polipropileno, cloreto de polivinila, PVC rigido, triacetato de celulose,
poliestireno de acetato, polietileno, nailon, acrilico e papeldo de poliéterimi-
da. O substrato de tereftalato de polietileno pode ser polipropileno orientado
de filme do tipo Melienex (obtenivel da DuPont Films Willimington Delaware,
Product ID Melinex HS-2).

O substrato pode compreender papéis e papelao feito de polpa
de papel ou algodao ou fibras soltas de madeira sintética. O papel/papelao
pode ser revestido, calandrado ou vitrificado em uma maquina.

A formagéo de uma imagem opticamente variavel sobre o subs-
trato pode compreender depoésito de um composto ou composicdo curavel
sobre pelo menos uma por¢do do substrato. A composigdo, geralmente um
revestimento ou verniz, pode ser depositada por meio de impressao através
dos processos de gravura, flexografico, jato de tinta e tela. O verniz curavel
pode ser curado através de radiagoes actinicas, de preferéncia luz ultraviole-
ta (U.V.) ou feixe de elétrons. De preferéncia, o verniz é curado por UV. Ver-
nizes de cura por UV podem ser obtidos da Ciba Speciality Chemicals. E
requerido que o0s vernizes expostos a radiagdes actinicas ou feixe de elé-
trons usados na presente invengdo atinjam um estagio solidificado quando
eles se separam novamente da cunha de formacéo de imagem de forma a
manter o registro em sua camada superior do padrdao ou imagem de rede de
difragéo holografica, submicroscépica (OVI). Particularmente adequados pa-
ra as composi¢coes de verniz sdo produtos quimicos usados nas industrias
curaveis por radiagdo em revestimentos industriais e arte grafica. Particular-
mente adequadas sdo composi¢cdes contendo um ou varios catalisadores
fotolatentes que iniciardo a polimerizagdo da camada de verniz exposta as
radiagdes actinicas. Particularmente adequadas para cura e convers&o rapi-
da a um estado solido sdo composi¢cdes compreendendo um ou varios mo-
ndmeros e oligbmeros sensiveis a polimerizagdo de radical livre, tais como

acrilatos, metacrilatos ou mondmeros e/ou oligbmeros contendo pelo menos
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um grupo etilenicamente insaturado.

Os compostos insaturados podem incluir uma ou mais ligagoes
duplas olefinicas. Eles podem ser de baixa (monoméricos) ou alta (oligomé-
ricos) massa molecular. Exemplos de mondmeros contendo uma ligacdo
dupla sdo acrilatos de alquila, hidréxialquila ou amino ou metacrilatos de al-
quila, hidroxialquila ou amino, por exemplo, acrilato de metila, etila, butila, 2-
etil-hexila ou 2-hidroxietila, acrilato de isobornila, metacrilato de metila ou
metacrilato de etila. Acrilatos de silicone também s&o vantajosos. Outros e-
xemplos sao acrilonitrilo, acrilamida, metacrilamida, (met)acrilamidas N-
substituidas, vinil ésteres, tal como acetato de vinila, vinil éteres, tal como
isobutil vinil éter, estireno, alquil- e haloestirenos, N-vinilpirrolidona, cloreto
de vinila ou cloreto de vinilideno.

Exemplos de monémeros contendo duas ou mais ligagdes du-
plas sdo os diacrilatos de etileno glicol, propileno glicol, neopentil glicol, he-
xametileno glicol ou de bisfenol A e 4,4'-bis(2-acriloiloxietoxi)difenilpropano,
triacrilato de trimetilolpropano, triacrilato ou tetraacrilato de pentaeritritol, a-
crilato de vinila, divinilbenzeno, succinato de divinila, ftalato de dialila, fosfato
de trialila, isocianurato de trialila ou isocianurato de tris(2-acriloiletila).

Exemplos de compostos poliinsaturados de massa molecular
relativamente alta (oligbmeros) sdo resinas de epodxi acriladas, poliésteres
contendo grupos acrilato, vinil éter ou epdxi e também poliuretanos e poliete-
res. Outros exemplos de oligbmeros insaturados sdo resinas de poliéster
insaturadas as quais sao, usualmente, preparadas a partir de acido maleico,
acido ftalico e um ou mais dibdis e tém pesos moleculares de cerca de 500 a
3000. Além disso, também ¢é possivel empregar monémeros e oligbmeros de
vinil éter e também oligbmeros terminados em maleato com cadeias princi-
pais de poliéster, poliuretano, poliéter, polivinil éter e epdxi. De adequabili-
dade particular sdo combinagdes de oligbmeros os quais trazem grupos vinil
éter e de polimeros, conforme descrito no W090/01512. Contudo, copolime-
ros de vinil éter e mondémeros funcionalizados com acido maleico sdo tam-

bém adequados. Oligbmeros insaturados desse tipo podem também ser re-

feridos como pré-polimeros.
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Exemplos particularmente adequados de ésteres de acidos car-
boxilicos etilenicamente insaturados e polidis ou poliepdxidos e polimeros
tendo grupos etilenicamente insaturados na cadeia ou em grupos laterais,
por exemplo, poliésteres insaturados, poliamidas e poliuretanos e copolime-
ros dos mesmos, polimeros e copolimeros contendo grupos (met)acrilicos
em cadeias laterais e também misturas de um ou mais de tais polimeros.

Exemplos de acidos carboxilicos insaturados sdo acido acrilico,
acido metacrilico, acido croténico, acido itaconico, acido cinamico e acidos
graxos insaturados, tais como &cido linolénico ou acido oleico. Acido acrilico
e metacrilico sao preferidos.

Polidis adequados sao aromaticos e, em particular, polidis alifati-
cos e cicloalifaticos. Exemplos de polidis aromaticos sd@o hidroquinona, 4,4'-
di-hidroxidifenila, 2,2-di(4-hidroxifenil)propano e também novolacs e resois.
Exemplos de poliepdxidos sdo aqueles baseados nos polidis acima mencio-
nados, especialmente os polidis aromaticos e epicloroidrina. Outros polidis
adequados sao polimeros e copolimeroé contendo grupos hidroxila na ca-
deia polimérica ou grupos laterais, exemplos sendo alcool polivinilico e copo-
limeros do mesmo ou metacrilatos de poli-hidroxialquila ou copolimeros dos
mesmos. outros polidis adequados sdo oligoésteres tendo grupos terminais
hidroxila.

Exemplos de polidis alifaticos e cicloalifaticos s&o alquilenodiois
tendo, de preferéncia, 2 a 12 atomos de C, tais como etileno glicol, 1,2- ou
1,3-propanodiol, 1,2-, 1,3- ou 1,4-butanodiol, pentanodiol, hexanodiol, octa-
nodiol, dodecanodiol, dietileno glicol, trietilteno glicol, polietileno glicdis tendo
pesos moleculares, de preferéncia, de 200 a 1500, 1,3-ciclopentanodiol, 1,2-,
1,3- ou 1,4-ciclo-hexanodiol, 1,4-di-hidroximetilciclo-hexano, glicerol,
tris((-hidroxietil)amina, trimetiloletano, trimetilolpropano, pentaeritritol, dipen-
taeritritol e sorbitol.

Os polidis podem ser parcial ou completamente esterificados
com um acido carboxilico ou com diferentes acidos carboxilicos insaturados
e, em ésteres parciais, os grupos hidroxila livres podem ser madificados, por

exemplo, eterificados ou esterificados com outros acidos carboxilicos.
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Exemplos de ésteres s&o: triacrilato de trimetilolpropano, triacri-
lato de trimetiloletano, trimetacrilato de trimetilolpropano, trimetacrilato de
trimetiloletano, dimetacrilato de tetrametileno glicol, dimetacrilato de trietileno
glicol, diacrilato de tetraetileno glicol, diacrilato de pentaeritritol, triacrilato de
pentaeritritol, tetraacrilato de pentaeritritol, diacrilato. de dipentaeritritol, tria-
crilato de dipentaeritritol, tetraacrilato de dipentaeritritol, penta-acrilato de
dipentaeritritol, hexa-acrilato de dipentaeritritol, octa-acrilato de tripentaeritri-
tol, dimetacrilato de pentaeritritol, trimetacrilato de pentaeritritol, dimetacrilato
de dipentaeritritol, tetrametacrilato de dipentaeritritol, octametacrilato de tri-
pentaeritritol, di-itaconato de pentaeritritol, tris-itaconato de dipentaeritritol,
pentaitaconato de dipentaeritritol, hexaitaconato de dipentaeritritol, diacrilato
de etileno glicol, diacrilato de 1,3-butanodiol, dimetacrilato de 1,3-butanodiol,
diitaconato de 1,_4—butanodiol, triacrilato de sorbitol, tetraacrilato de sorbitol,
triacrilato pentaeritritol-modificado, tetra metacrilato de sorbitol, penta-acrilato
de sorbitol, hexaacrilato de sorbitol, acrilatos e metacrilatos de oligoéster,
diacrilato e triacrilato de glicerol, diacrilato de 1,4-ciclo-hexano, bisacrilatos e
bismetacrilatos de polietileno glicol com um peso molecular de 200 a 1500
ou misturas dos mesmos.

Também adequados como componentes polimerizaveis sédo as

amidas de acidos carboxilicos insaturados idénticos ou diferentes com poli-

- aminas aromaticas, cicloalifaticas e alifaticas tendo, de preferéncia, 2 a 6,

especialmente 2 a 4 grupos amino. Exemplos de tais poliaminas séo etileno-
diamina, 1,2- ou 1,3-propilenodiamina, 1,2-, 1,3- ou 1,4-butilenodiamina, 1,5-
pentilenodiamina, 1,6-hexilenodiamina, octilenodiamina, dodecilenodiamina,
1,4-diaminociclo-hexano, isoforonadiamina, fenilenodiamina, bisfenilenodia-
mina, di-B-aminoetil éter, dietilenotriamina, trietilenotetramina, di(f3-
aminoetodxi)- ou di(R-aminopropodxi)etano. Outras poliaminas adequadas sao
polimeros e copolimeros, de preferéncia com grupos amino adicionais na
cadeia lateral e oligoamidas tendo grupos terminais amino. Exemplos de tais
amidas insaturadas sao metilenobis acrilamida, 1,6-hexametilenobis acrila-
mida, dietilenotriaminatris metacrilamida, bis(metacrilamidopropdxi)etano,

metacrilato de 3-metacrilamidoetila e N[(R-hidréxietoxi)etillacrilamida.
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Poliésteres e poliamidas insaturados adequados s&o derivados,
por exemplo, de acido maleico e de didis ou diaminas. Um pouco do acido
maleico pode ser substituido por outros acidos dicarboxilicos. Eles podem
ser usados junto com comondmeros etilenicamente insaturados, por exem-
plo, estireno. Os poliésteres e poliamidas também podem ser derivados de
acidos dicarboxilicos e de didis ou diaminas etilenicamente insaturados, es-
pecialmente daqueles com cadeias relativamente longas, por exemplo, de 6
a 20 atomos de C. Exemplos de poliuretanos séo aqueles compostos de di-
isocianatos saturados ou insaturados ou, respectivamente, diois saturados.

Polimeros com grupos (met)acrilato na cadeia lateral s&o, da
mesma forma, conhecidos. Eles podem, por exemplo, ser os produtos da
reacdo de resinas de epoxi baseadas em novolacs com acido (met)acrilico
ou podem ser homo- ou copolimeros de alcool vinilico com derivados de hi-
droxialquila dos mesmos os quais séo esterificados com acido (met)acrilico
ou podem ser homo- e copolimeros de (met)acrilatos os quais séo esterifica-
dos com (met)acrilatos de hidroxialquila.

Outros polimeros adequados com grupos acrilato ou metacrilato
nas cadeias laterais s3o, por exemplo, precursores de poli-imida soluveis em
solvente ou solliveis em aicali, por exemplo, compostos de éster de acido
(poli)amico, tendo os grupos laterais fotopolimerizaveis presos a parte prin-
cipal ou aos grupos éster na molécula, isto &, de acordo com a patente
EP624826. Tais oligdmeros ou polimeros podem ser formulados com diluen-
tes opcionalmente reativos, tais como (met)acrilatos polifuncionais, de forma
a preparar resistores de precufsor de poli-imida altamente sensiveis.

Exemplos de componentes polimerizaveis sdo também polime-
ros ou oligdmeros tendo pelo menos dois grupos etilenicamente insaturados
e pelo menos uma fungdo carboxila dentro da estrutura da molécula, tal co-
mo uma resina obtida através da reagdo de um anidrido acido polibasico sa-
turado ou insaturado com um produto da reagéo de um composto de epoxi e
um acido monocarboxilico insaturado, por exemplo, compostos fotossensi-
veis, tal como descrito no JP 10-301276 e produtos comerciais tais como,
por exemplo, EB9696, UCB Chemicals; KAYARAD TCR1025, Nippon Kaya-
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ku Co., LTDA., NK OLIGO EA-6340, EA-7440 da Shin-Nakamura Chemical
Co., Ltda. ou um produto da adigdo formado entre uma resina contendo um
grupo carboxila e um composto insaturado tendo uma ligagdo dupla o,pB-
insaturado e um grupo epodxi (por exemplo, ACA200M, Daicel industries, Lt-
da.). Produtos comerciais adicionais como exemplos de componente polime-
rizavel sdo ACA200, ACA210P, ACA230AA, ACA250, ACA300, ACA320 da
Daicel Chemical Industries, Ltda.

Os compostos fotopolimerizaveis séao usados sozinhos ou em
quaisquer misturas desejadas. E preferido usar misturas de poliol
(met)acrilatos.

Uma composi¢do preferida compreende pelo menos um com-
posto tendo pelo menos um grupo carboxilico livre, o referido composto sen-
do objeto do componente (a) ou de um polimero aglutinante.

Como diluente, um composto etilenicamente insaturado mono-
ou multifuncional ou misturas de varios dos referidos compostos podem ser
incluidas na composicédo acima até 70% em peso, baseado na porgdo solida
da composi¢ao.

A invencdo também proporciona composigoes compreendendo,
como componente polimerizavel, pelo menos um composto fotopolimerizavel
etilenicamente insaturado o qual é emulsificado ou dissolvido em agua.

Os componentes polimerizaveis insaturados também podem ser
usados em mistura com componentes de formagdo de filme nao-
fotopolimerizaveis. Esses podem, por exemplo, ser polimeros de secagem
fisica ou solugdes dos mesmos em solventes organicos, por exemplo, nitro-
celulose ou acetobutirato de celulose. Eles também podem, contudo, ser
resinas quimica e/ou termicamente curaveis (curaveis pelo calor), exemplos
sendo poli-isocianatos, poliepoxidos e resinas de melamina, bem como pre-
cursores de poli-imida. O uso de resinas curaveis pelo calor ao mesmo tem-
po € importante para uso em sistemas conhecidos como sistemas hibridos
os quais, em um primeiro estagio, séo fotopolimerizados e, em um segundo
estagio, sdo reticulados por meio de pés-tratamento térmico.

Um fotoiniciador € incorporado na formulagio para iniciar o pro-
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cesso de cura por UV.
Compostos fotoiniciadores sdo, por exemplo, descritos por Kurt

Dietliker em "A compilation of photoinitiators commercially available for UV
today", Sita Technology Ltda., Edimburgo e Londres, 2002 e por J.V. Crivello
e K Dietliker em "Chemistry & Technology of UV & EB Formulation for Coa-
tings, Inks and Paints; Photoinitiators for Free Radical, Cationic & Anionic
Photopolymerization, Ed. 2, Vol. lll, 1998, Sita Technology Ltda., Londres.

Em determinados casos, pode ser de vantagem usar misturas de
dois ou mais fotoiniciadores, por exemplo, misturas com canfor quinona;
benzofenona, derivados de benzofenona da férmula:.

R "
RS R
Ry 4 Y em que

€Y
85 66 67 m , .
R, R™ e R"’ sdo, independentemente uns dos outros, hidrogé-

nio, C4-Cs-alquila, C;-Cs-halogenalquila, C;-Cs-alcdxi, cloro ou N(C-C4-

alquila),;
R® & hidrogénio, C;-Cs-alquila, C4-Cs-halogenalquila, fenila,
N(C4-Cs-alquila),, COOCHs3, ' ou
il o
-na»gwgg«{vamcam& ﬁ“gmg~0/©\§ @
e,
neé 2-10.
Exemplos especificos sdo: 2,4,6-trimetilbenzofenona, 2-
metilbenzofenona, 3-metilbenzofenona, 4-metilbenzofenona, 2-
metoxicarbonilbenzofenona 4,4'-bis(clorometil)benzofenona, 4-

clorobenzofenona, 4-fenilbenzofenona, 3,3-dimetil-4-metoxi-benzofenona,
[4-(4-metilfeniltio)fenil}-feniimetanona, metil-2-benzoilbenzoato, 3-metil-4'-
fenilbenzofenona, 2,4,6-trimetil-4'-fenilbenzofenona, 4,4'-
bis(dimetilamino)benzofenona, 4,4'-bis(dietilamino)benzofenona; ESACURE
TZT (disponivel da Lamberti (uma mistura de 2,4,6-trimetilbenzofenona e 4-
metilbenzofenona);

compostos de cetal tais como, por exemplo, benzildimetilcetal

(IRGACURE( 651); acetofenona, derivados de acetofenona, alfa-hidroxi ce-
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tonas, alfa-alcéxicetonas ou alfa-aminocetonas da férmula:

R2g € hidrogénio ou C¢-Cjg-alcoxi;
Rso € hidrogénio, C4-Cyg-alquila, C4-Ci2-hidroxialquila, C4-Cqg-
alcoxi, -OCH,CH»-OR*, morfolino, C4-Cygalquila-S-, um grupo H,C=CH-,

o, L \
G.;%créwéw}mel , f="¢ g \_/ K
H2C=C(CHs3)-, A Re

w

!
omea;-zl3~}~amgcn;—om
31

o

oH,  oH, /
Gl iTH « ) 24 ; G CH,
R ] U S | 5 TSRRNIED  N
H 5.———{—- ;caz)rcm%;ocmca,—, C—qcH
= £,
’ . o o,
= §=° o F:B Gm(Chy), ﬁ—}—om cromt? B
HO-CeGH, HO—LTH RS?:_?“‘CE&J,{ e ) s wdE MR S = éy
# ou K

i)
O:H oH Ry

a, b e c sdo 1-3;
né2-10;
G3 e G4 séo, independentemente um do outro, grupos terminais

da estrutura polimérica, de preferéncia hidrogénio ou metila;

2 2 g
1l L ST
R4z & hidrogénio, —C—CH=CH, ,, —S—C==CH, ;

R31 € hidréxi, Cq-Cqe-alcOxi, morfolino, dimetilamino ou -
O(CH>CH,O)m- C4-Cqs-alquila;
ccs R32 € R33 sdo, independentemente um do outro, hidrogénio, C-
Ce-alquila, C1-Cqg-alcoxi ou -O(CH,CH20),,- C4-Cqs-alquila; ou fenila ou ben-
Zila n&o substituida; ou fenila ou benzila substituida por C4-Cyz-alquila; ou

R32 € Ras, junto com o atomo de carbono ao qual eles estdo presos, formam

um anel de ciclo-hexila;

m & 1-20, contanto que Rz4, Rs2 € R33 todos juntos ndo sejam Cy-
C1e-alcoxi ou -O(CH2CH20)m- Cy-Cqe-alquila.

Por exemplo, a-hidroxicicloalquil fenil cetonas ou a-hidréxialquil
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fenil cetonas tais como, por exemplo, 2-hidréxi-2-metil-1-fenil-propanona
(DAROCUR® 1173),  1-hidréxi-ciclo-hexil-fenil-cetona  (IRGACURE® 184),
IRGACURE® 500 (uma mistura de IRGACURE® 184 com benzofenona), 1-
(4-dodecilbenzoil)-1-hidréxi-1-metil-etano,  1-(4-isopropilbenzoil)-1-hidroxi-1-
metil-etano, 1-[4-(2-hidréxietoxi)-fenil]-2-hidroxi-2-metil-1-propan-1-ona (IR-
GACURE® 2959); 2-hidroxi-1-{4-[4-(2-hidréxi-2-metil-propionil)-benzil]-fenil}-
2-metil-propan-1-ona (IRGACURE® 127); 2-Benzil-1-(3,4-dimetdxi-fenil)-2-

dimetilamino-butan-1-ona; 2-Hidroéxi-1-{4-[4-(2-hidroxi-2-metil-propionil)-
GH,

34 -
Hs’;)"[‘i, =
OH (;I =i
-~ GH,

fendxi]-fenil}-2-metil-propan-1-ona,
ESACURE KIP and ONE fornecido pela Fratelli Lamberti,
2-hidroxi-1-{1-[4-(2-hidroxi-2-metil-propionil)-fenil]-1,3,3-trimetil-
indan-5-il}-2-metil-propan-1-ona, CG42-1118, dialcéxiacetofenonas, (-hidréoxi-
ou (-aminoacetofenonas, por exemplo, (4-metiltiobenzoil)-1-metil-1-
morfolinoetano (IRGACURE® 907), (4-morfolinobenzoil)-1-benzil-1-

dimetilaminopropano (IRGACURE?® 369), (4-morfolinobenzoil)-1-(4-
metilbenzil)-1-dimetilaminopropano (IRGACURE® 379), (4-(2-
hidroxietil)aminobenzoil)-1-benzil-1-dimetilaminopropano), 2-benzil-2-

dimetilamino-1-(3,4-dimetdxifenil) butanona-1; 4-aroil-1,3-dioxolanos, alquil
éteres de benzoina e benzil cetais, por exemplo, dimetil benzil cetal, ésteres
fenilglioxalicos e derivados dos mesmos, por exemplo, 2-(2-hidroxi-etdxi)-etil
éster de acido oxo-fenil-acético, ésteres fenilglioxalicos diméricos, por exem-
plo, 1-metil-2-[2-(2-ox0-2-fenil-acetoxi)-propoxi]-etil éster de acido oxo-fenil-
acético (IRGACURE® 754); ésteres de oxima, por exemplo, 1-[4-
(feniitio)fenil]-2-(O-benzoiloxima) de 1,2-octanodiona (IRGACU-
RE® OXE01), 1-[9-etil-6-(2-metilenzoil)-9H-carbazol-3-il]-1-(O-acetiloxima) de
etanona (IRGACURE® OXE02), 9-oxo-2-(O-acetiloxima) de 9H-tioxanteno-2-
carboxaldeido, perésteres, por exemplo, perésteres tetracarboxilicos de
benzofencna cenforme descrito, por exemplo, na patente EP 126541, éxidos

de monoacil fosfina, por exemplo, éxido de (2,4,6-trimetilbenzoil)difenilfosfina
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(DAROCUR® TPO), etil éster de acido (2,4,6 trimetilbenzoil fenil) fosfinico;
o6xidos de bisacilfosfina, por exemplo, 6xido de bis(2,6-dimetoxi-benzoil)-
(2,4,4-trimetil-pentil)fosfina, o6xido de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fenilfosfina
(IRGACURE® 819), o6xido bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-2,4-dipentdxifenilfosfina,
oOxidos de ftrisacilfosfina, halometiltriazinas, por exemplo, 2-[2-(4-metoxi-
fenil)-vinill-4,6-bis-tricloroetil-[1,3,5]triazina, 2-(4-metoxi-fenil)-4,6-bis-
triclorometil-[1,3,5]triazina, 2-(3,4-dimetoxi-fenil)-4,6-bis-triclorometil-
[1,3,5]triazina, 2-metil-4,6-bis-triclorometil-[1,3,5]triazina, sistemas coiniciado-
res de hexa-arilbisimidazol, por exemplo, orto-cloro-hexafenil-bisimidazola
combinada com 2-mercaptobenztiazola, compostos de ferrocénio ou titano-
cenos, por exemplo, bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-pirril-fenil)titanio
(IRGACURE® 784). Ainda, compostos de borato podem ser usados como
coiniciadores.
Fenilglioxalatos da féormuia:.

Ryy Ras
8 g 53\,%3!
Sl Fal R Ry o \ ff' R&;
Rs4 € hidrogénio, C4-C4z-alquila ou Pt
Res Rus

Rss, Rss, Rs7, Rsg € Rsg sd0, independentemente uns dos outros,
hidrogénio, C4-Cz-alquila ndo substituida ou C4-Cjz-alquila substituida por
OH, C+-C4-alcoxi, fenila, naftila, halogénio ou CN; em que a cadeia alquila &
opcionalmente interrompida por um ou mais atomos de oxigénio; ou Rss, Rse,
Rs57, Rss € Rsg sd0, independentemente uns dos outros, C41-Cy-alcoxi, C1-Cy-
alquiltio ou NRs2Rs3;

Rs2 e Rs3 sdo, independentemente uns dos outros, hidrogénio,
C4-Cq2-alquila ndo substituida ou C4-Cqz-alquila substituida por OH ou SH
em que a cadeia alquila € opcionalmente interrompida por um a quatro ato-
mos de oxigénio; ou Rs2 € Rs3 sao, independentemente uns dos outros, Co-

C1z-alquenila, ciclopentila, ciclo-hexila, benzila ou fenila; e
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Y1 é C4Cqp-alquileno opcionalmente interrompido por um ou
mais atomos de oxigénio. |

Um exemplo é 2-[2-(2-oxo-2-fenil-acetoxi)-etoxil-etil éster de aci-
do oxo-fenil-acético (IRGACURE® 754). Um outro exemplo de um fotoinicia-

dor & Esacure 1001 disponivel da Lamberti: 1-[4-(4-benzoilfenil-sulfanil)fenil}-
Q GHy =

= = —
@)—C—QS N C—g;SOzx\ Y CH,

=

2-metil-2-(4-metilfenil-sulfonil)propan-1-ona .

As composicdes fotopolimerizaveis geralmente compreendem
0,05 a 20% em peso, de preferéncia 0,01 a 10% em peso, em particular 0,01
a 8% em peso do fotoiniciador, baseado na composigéo solida. A quantidade
refere-se a soma de todos os fotoiniciadores adicionados, se misturas de
iniciadores sao empregadas.

Além do fotoiniciador, as misturas fotopolimerizaveis podem
compreender varios aditivos. Exemplos dos mesmos incluem inibidores tér-
micos, estabilizantes de luz, branqueadores 6pticos, enchedores e pigmen-
tos, bem como pigmentos brancos e coloridos, corantes, agentes antiestati-
ca, promotores de ades3o, agentes de umedecimento, auxiliares de fluxo,
lubrificantes, ceras, agentes antiadesivo, dispersantes, emulsificantes, antio-
xidantes: enchedares, por exemplo, talco, gesso, acido silicico, rutilo, negro-
de-carvao, oxido de zinco, 6xidos de ferro; aceleradores de reagéo, espes-
santes, agentes de revestimento, antiespumantes e outros adjuvantes co-
muns, por exemplo, em tecnologia de verniz, tinta e revestimento.

Para acelerar a fotopolimerizacédo, é possivel adicionar aminas
como aditivos, por exemplo, trietanolamina, N-metildietanolamina, etil-p-
dimetilaminobenzoato, benzoato de 2-(dimetilamino)etila, 2-etil-hexil-p-
dimetilaminobenzoato, octil-para-N,N-dimetilaminobenzoato, N-(2-hidréxietil)-
N-metil-para-toluidina ou cetona de Michler. A agéo das aminas pode ser
intensificada através da adigdo de cetonas aromaticas do tipo benzofenona.
Exemplos de aminas as quais podem ser usadas como removedores de oxi-
génio sdo N,N-dialquilanilinas substituidas, conforme & descrito na patente
EP339841. Outros aceleradores, coiniciadores e auto-oxidantes sao tidis,
tioéteres, dissulfetos, sais de fosfonio, ¢xidos de fosfina ou fosfinas conforme
descrito, por exemplo, na patente EP438123, no GB2180358 e no JP Ko-
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kai Hei 6-68309.
A fotopolimérizagéo também pode ser acelerada atraves da adi-

cao de outros fotossensibilizantes ou coiniciadores (como aditivos) os quais
desviam ou ampliam a sensibilidade espectral. Esses sdo, em particular,
compostos aromaticos, por exemplo, benzofenona e derivados da mesma,
tioxantona e derivados da mesma, antraquinona e derivados da mesma, cu-
marina e - fenotiazina e derivados das mesmas e também 3-
(aroilmetileno)tiazolinas, rodanina, canforquinona, mas também eosina, ro-
damina, eritrosina, xanteno, tioxanteno, acridina, por exemplo, 9-
fenilacridina, 1,7-bis(9-acridinil)heptano, 1,5-bis(9-acridinil)pentano, corantes
de cianina e merocianina.

Como fotossensibilizantes, também ¢é possivel, por exemplo,
considerar as aminas fornecidas acima.

Exemplos de sensibilizantes adequados s&o descritos no
WO06/008251, pagina 36, linha 30 a pagina 38, linha 8, a descricdo do qual
€ incorporada aqui por referéncia.

Aglutinantes também podem ser adicionados as novas composi-
coes. Isso é particularmente expediente quando os compostos fotopolimeri-
zaveis sdo substéncias liquidas ou viscosas. A quantidade de aglutinante
pode, por exemplo, ser de 2-98%, de preferéncia 5-95% e especialmente 20-
90% em peso com relagdo ao teor total de solidos. A escolha do aglutinante
¢é feita dependendo do campo de aplicacdo e das propriedades requeridas
para esse campo, tal como a capacidade de desenvolvimento em sistemas
de solvente aquosos e orgénicos, adesdo a substratos e sensibilidade ao
oxigénio.

Exemplos de aglutinantes adequados sao polimeros tendo um
peso molecular de cerca de 2.000 a 2.000.000, de preferéncia 5.000 a
1.000.000.

Exemplos de aglutinantes passiveis de desenvolvimento com
alcali s&o polimeros acrilicos tendo fungdo acido carboxilico como um grupo
pendente, tais como copolimeros convencionalmente conhecidos obtidos

atraves de copolimerizacdo de um acido carboxilico etilenicamente insatura-
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do, tais como acido (met)acrilico, acido 2-carbdxietil (met)acrilico, acido 2-
carboxipropil (met)acrilico, acido itacdnico, acido croténico, acido maleico,
acido fumarico e mono(met)acrilato de w-carboxipolicaprolactona, com um
ou mais mondmeros selecionados de ésteres de acido (met)acrilico, tais co-
mo metil (met)acrilato, etil (met)acrilato, propil (met)acrilato, butil
(met)acrilato, benzil (met)acrilato, 2-etil-hexil (met)acrilato, hidroxietil
(met)acrilato, hidroxipropil (met)acrilato, glicerol mono(met)acrilato, trici-
clo[5.2.1.0%%|decan-8-il (met)acrilato, glicidil (met)acrilato, ~2-metilglicidil
(met)acrilato, 3,4-epoxibutil (met)acrilato, 6,7-epoxi-heptil (met)acrilato, N,N-
dimetilaminoetil  (met)acrilato, N,N-dietilaminoetil  (met)acrilato,  N,N-
dietilaminoetil (met)acrilato, N,N-dimetilaminopropil (met)acrilato; compostos
aromaticos de vinila, tais como estireno, a-metilestireno, viniltolueno, p-
cloroestireno, vinilbenzil glicidil éter, 4-vinilpiridina; compostos insaturados do
tipo amida, (met)acrilamida, diacetona acrilamida, N-meti(olacrilamida, N-
butéximetacrilamida N,N-dimetilacrilamida, N, N-dimetilaminopropil
(met)acrilamida; e compostos do tipo poliolefina, tais como butadieno, iso-
preno, cloropreno e semelhantes; metacrilonitrilo, metil isopropenil cetona,
succinato de mono-2-[(met)acriloiloxiletila, N-fenilmaleimida, anidrido malei-
co, acetato de vinila, propionato de vinila, pivalato de vinila, vinilpirrolidona,
N, N-dimetilaminoetil vinil éter, dialilamina, macro-monémero de poliestireno
ou macro-mondmero de polimetil (met)acrilato.

Exemplos de copolimeros s@o copolimeros de acrilatos e meta-
crilatos com acido acrilico ou acido metacrilico e com estireno e estireno
substituido, resinas fendlicas, por exemplo, novolac, (polihidroxiestireno e
copolimeros de hidroxiestireno com alquil acrilatos, acido acrilico e/ou acido
metacrilico. Exemplos preferiveis de copolimeros sd8o copolimeros de metil
metacrilato/acido metacrilico, copolimeros de benzil metacrilato/acido meta-
crilico, copolimero de metil metacrilato/etil acrilato/acido metacrilico, copoli-
meros de benzil metacrilato/acido metacrilico/estireno, copolimeros de benzil
metacrilato/acido metacrilico/hidroxietil metacrilato, copolimeros de metil me-
tacrilato/butil metacrilato/acido metacrilico/estireno, copolimeros de metil me-

tacrilato/benzil metacrilato/acido metacrilico/hidroxifenil metacrilato. Exem-
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plos de polimeros aglutinantes passiveis de desenvolvimento em solvente
s3o poli(alquil metacrilatos), poli(alquil acrilatos), poli(benzilmetacrilato-co-
hidroxietilmetacrilato-co-acido metacrilico), poli(benzilmetacrilato-co-acido
metacrilico); ésteres de celulose e éteres de celulose, tais como acetato de
celulose, acetobutirato de celulose, metilcelulose, etilcelulose; polivinilbutiral,
polivinilformal, borracha ciclizada, poliéteres, tais como oxido de polietileno,
oxido de polipropileno e politetra-hidrofurano; poliestireno, policarbonato,
poliuretano, poliolefinas cloradas, cloreto de polivinila, copolimeros de clore-
to de vinila/vinilideno, copolimeros de cloreto de vinilideno com acrilonitrilo,
metil metacrilato e acetato de Vvinila, acetato de polivinila, copo-
liletileno/acetato de vinila), polimeros tais como policaprolactame e po-
lilhexametileno adipamida) e ‘poliésteres, tais como tereftalato de (po-
li)etileno glicol e succinato de (poli)hexametileno glicol e resinas aglutinantes
de poli-imida. .

A resina aglutinante de polimida pode ser uma poli-imida soltvel
em solvente ou um precursor de poli-imida, por exemplo, um acido (po-
liYamico.

Interessante é uma composigdo fotopolimerizavel compreenden-
do, como polimero aglutinante, um copolimero de acido metacrilico e meta-
crilato. Interessante ainda sdo componentes aglutinantes poliméricos con-
forme descrito, por exemplo, no JP 10-171119-A.

Composicdes "de cura dupla” ou "duplamente curaveis" também
podem ser usadas no presente pedido.

As composicdes anteriores sdo eficientemente curadas através
de feixe de elétrons ou na presenca de fotoiniciadores de radical livre quan-
do irradiadas com ondas eletromagnéticas.

Particularmente adequadas para a cura e convers&o rapida a um
estado sdlido sdo composicdes compreendendo um ou varios monémeros €
oligbmeros sensiveis a polimerizagdo catidnica, tais como resinas de epoxi,
glicidil éteres, vinil éteres, oxetanos ou outros mondmeros e oligbmeros que

serdo homopolimerizados ou copolimerizados em um sistema curavel catio-

nico.
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Composicdes correspondentes compreendem, como componen-
te polimerizavel, por exemplo, resinas e compostos que podem ser cationi-
camente polimerizados por cations contendo alquila ou arila ou por prétons.
Exemplos dos mesmos incluem éteres ciclicos, especialmente epdxidos e
oxetanos e tambem vinil éteres e compostos contendo hidroxi. Compostos
de lactona e tioéteres ciclicos, bem como vinil tioéteres, também podem ser
usados. Outros exemplos incluem aminoplasticos e resinas de resola fendli-
cas. Essas sao, especialmente, resinas de melamina, ureia, epoxi, fendlicas,
acrilicas, de poliéster e alquideo, mas especialmente misturas de resinas
acrilicas, de poliéster ou alquideo com uma resina de melamina. Essas in-
cluem também resinas de revestimento de superficie modificado tais como,
por exemplo, resinas de poliéster e alquideo acrilico-modificadas. Exemplos
de tipos individuais de resinas que séo incluidas sob os termos resinas acri-
licas, de poliéster e alquideo sdo descritos, por exemplo, em Wagner,
Sarx/Lackkunstharze (Munique, 1971), paginas 86 a 123 e 229 a 238 ou em
Ullmann/Enciclopadie der techn. Chemie, 42 edigéo, volume 15 (1978), pagi-
nas 613 a 628 ou Ullmann's Enciclopedia of Industrial Chemistry, Verlag
Chemie, 1991, Vol. 18, 360 ff., Vol. A19, 371 ff.. O revestimento de superficie
compreende, de preferéncia, uma resina de amino. Exemplos da mesma
incluem resinas de melamina, ureia, guanidina e biuret eterificadas e nao
eterificadas. De importancia especial € a catalise acida para a cura de reves-
timentos de superficie compreendendo resinas de amino eterificadas tais
como, por exemplo, resinas de melamina butiladas ou metiladas, (N-
metoximetil- ou N-butoximetil-melamina) ou glicourilas metiladas/butiladas.

E possivel, por exemplo, usar todos os epoxidos comuns, tais
como resinas de epodxi aromaticas, alifaticas ou cicloalifaticas. Essas séo
compostos tendo pelo menos um, de preferéncia pelo menos dois grupos
epoxi na molécula. Exemplos dos mesmos s3o os glicidil éteres e B-metil
glicidil éteres de didis ou polidis alifaticos ou cicloalifaticos, por exemplo, a-
queles de etileno glicol, propano-1,2-diol, propano-1,3-diol, butano-1,4-diol,
dietileno glicol, polietileno glicol, polipropileno glicol, glicerol, trimetilolpropa-
no ou 1,4-dimetilolciclo-hexano ou de 2,2-bis(4-hidroxiciclo-hexil)propano e
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N,N-bis(2-hidroxietil)anilina; os glicidil éteres de di- e poli-fendis, por exem-
plo, de resorcinol, de 4,4'-di-hidroxifenil-2,2-propano, de novolacs ou de
1,1,2,2-tetraquis(4-hidroxifenil)etano. Exemplos dos mesmos incluem fenil
glicidil éter, p-terc-butil glicidil éter, o-icresil glicidil éter, politetrahidrofurano
glicidil éter, n-butil glicidil éter, 2-etil-hexilglicidiléter, C12/15alquil glicidil éter e
ciclo-hexanodimetanol diglicidil éter. Outros exemplos incluem compostos de
N-glicidila, por exemplo, os compostos de glicidila de etilenoureia, 1,3-
propilenoureia ou 5-dimetil-hidantoina ou de 4,4'-metileno-5,5'-tetrametildi-
hidantoina ou compostos tal como isocianurato de triglicidila.

Outros exemplos de componentes de glicidil éter que sido usa-
dos nessas formulacdes sdo, por exemplo, glicidil éteres de fendis poli-
hidricos obtidos através da reacdo de fendis poli-hidricos com um excesso
de cloroidrina tais como, por exemplo, epicloroidrina (por exemplo, glicidil
éteres de 2,2-bis(2,3-epdxipropdxifenol)propano. Outros exemplos de epodxi-
dos de dlicidil éter que podem ser usados com relacdo a presente invengao
sdo descritos, por exemplo, na US3018262 e em "Handbook of Epoxy Re-
sins” por Lee e Neville, McGraw-Hill Book Co., New York (1967).

Ha também um grande numero de epdxidos de glicidil éter co-
mercialmente disponiveis que sdo adequados como componente tais como,
por exemplo, glicidil metacrilato, diglicidil éteres de bisfenol A, por exemplo,
aqueles obteniveis sob as marcas comerciais EPON 828, EPON 825, EPON
1004 e EPON 1010 (Shell); DER-331, DER-332 e DER-334 (Dow Chemical);
1,4-butanodiol diglicidil éteres de fenolformaldeido novolac, por exemplo,
DEN-431, DEN-438 (Dow Chemical); e resorcinol diglicidil eteres; alquil glici-
dil éter tais como, por exemplo, Cg-Cqoglicidil éteres, por exemplo, HELOXY
Modifier 7, C12-Cqaglicidil éteres, por exemplo, HELOXY Modifier 8, butil gli-
cidil éteres, por exemplo, HELOXY Modifier 61, cresil glicidil éteres, por e-
xemplo, HELOXY Modifier 62, p-terc-butilfenil glicidil éteres, por exemplo,
HELOXY Modifier 65, glicidil éteres polifuncionais, tais como diglicidil éteres
de 1,4-butanodiol, por exemplo, HELOXY Modifier 67, diglicidil éteres de ne-
opentil glicol, por exemplo, HELOXY Modifier 68, diglicidil éteres de ciclo-
hexanodimetanol, por exemplo, HELOXY Modifier 107, trimetiloletano triglici-
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dil éteres, por exemplo, HELOXY Modifier 44, trimetilolpropano triglicidil éte-
res, por exemplo, HELOXY Modifier 48, poliglicidil éteres de alcoois alifati-
cos, por exemplo, HELOXY Modifier 84 (todos os glicidil' éteres HELOXY sdo
obteniveis da Shell).

Também adequados sao os glicidil éteres que compreendem
copolimeros de ésteres acrilicos tais como, por exemplo, metacrilato de esti-
reno-glicidila ou metacrilato de metila-acrilato de glicidila. Exemplos dos
mesmos incluem estireno/metacrilato de glicidila a 1:1, metacrilato de meti-
la/acrilato de glicidila a 1:1, metacrilato de metila/acrilato de etila/metacrilato
de glicidila a 62,5:24:13,5.

Os polimeros dos compostos de glicidil éter podem, por exem-
plo, também compreender outras funcionalidades, contanto que essas nao
prejudiqguem a cura catidnica.

Outros compostos de glicidil éter adequados que estdo comerci-
almente disponiveis sdo resinas de glicidil éter novolac sdélidas e liquidas
polifuncionais, por exemplo, PY 307, EPN 1179, EPN 1180, EPN 1182 e
ECN 9699. '

Deve ser entendido que misturas de diferentes compostos de

glicidil éter podem também ser usados como componente.

Os dlicidil éteres sao, por exemplo, compostos de formula XX:

TN .
T - ;
[HQCW&——CH;-O};R&Q (XX}, emque

em que:

X éumnumerode 1 ab6; e

Rso € um radical alquila ou arila mono- a hexavalente.

Preferéncia € dada, por exemplo, a compostos de glicidil éter de
formula XX em que:

X €éonumero1,20u3;e

Rso quando x = 1, é C4-Cqoalquila ndo substituida ou substituida
por fenila, naftila, antracila, bifenilila, C1-Cyoalquila ou C,-Czoalquila interrom-
pida por um ou mais atomos de oxigénio ou

Rsg guandc x = 2, ¢é 1,3-fenilenc, 1,4-fenilenc, Ce-

Ciqcicloalquileno, C4-Cypalquileno ndo substituido ou halo-substituido, C,-
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Capalquileno interrompido por um ou mais atomos de oxigénio ou um grupo

Rso quando x = 3, é um radical ’ ou
HQ{E—{—Q—GH{QHéQH; 1
B %muﬁrigwgpnaqa%m
cm{«n—ws rsrsfcmr—}—

zéumnumerode 1 a10; e

Reo € C1-Cypalquileno, oxigénio ou
Os dlicidil éteres (a1) sado, por exemplo, compostos de formuia

- XXa: :
L0 o
R?wgmﬁmngHz {XXa}, em que

R7o € C4-Cqralquila ndo substituida ou substituida por fenila; naf-

tila; antracila; bifenilila; C1-Cyalquila, C,-Cypalquila interrompida por um ou
s}

10 ila; ila;
H,C——C~CH;—0~Rg~

. mais atomos de oxigénio; ou um grupo de formula ;
Rs0 € fenileno, C4-Copalquileno, C,-Cypalquileno interrompido por

um ou mais atomos de oxigénio ou um grupo

Reo € C1-Cgoalquileno ou oxigénio.

15 € C4-Cyalquileno ou oxigénio.
Preferéncia é dada ao compostos de glicidil éter de férmula XXb
!Q\ O #
H,C—£—CH;—0—Rg @—c——«c—-——cm (XXb), em que

,ﬁ

Rsq é fenileno, C4-Cypalquileno, Co- ngalquileno interrompido por

\é jf”“R«m \ /ﬁ
um ou mais atomos de oxigénio ou um grupo  *
Reo € C4-Copalquileno ou oxigénio.
20 Outros exemplos para componente polimerizavel séo poliglicidil
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éteres e poli(B-metilglicidil) éteres obteniveis através da reagdo de um com-
posto contendo pelo menos dois grupos hidroxi alcodlicos e/ou fendlicos li-
vres por molécula com a epicloro-hidrina apropriada sob condigéés alcalinas
ou, alternativamente, na presenga de um catalisador acido com subsequente
tratamento com aicali. Misturas de diferentes polidis também podem ser u-
sados.

Tais éteres podem ser preparados com poli(epicloro-hidrina) a
partir de alcoois aciclicos, tais como etileno glicol, dietileno glicol e po-
liloxietileno) glicdis superiores, propano-1,2-diol e poli(oxipropileno) glicdis,
propano-1,3-diol, butano-1,4-diol, poli(oxitetrametileno) glicdois, pentano-1,5-
diol, hexano-1,6-diol, hexano-2,4,6-triol, glicerol, 1,1,1—trimetilol—propano,
pentaeritritol e sorbitol, a partir dlcoois cicloalifaticos, tais como resorcitol,
quinitol, bis(4-hidroxiciclo-hexil)metano, 2,2-bis(4—hidroxiciclo-hexil)propano e
1,1-bis-(hidroximetil)ciclo-hex-3-eno e de alcoois tendo nlcleos aromaticos,
tais como N,N-bis(2-hidréxietil)anilina e p,p'-bis(2-
hidréxietilamino)difenilmetano. Eles também podem ser preparadds a partir
de fendis mononucleares, tais como resorcinol e hidroquinona e fendis poli-
nucleares, tais como bis(4-hidroxifenil)metano, 4,4-di-hidroxidifenila, bis(4-
hidréxifenil)sulfona, 1,1,2,2-tetraquis(4-hidréxifenil)etano, 2,2-bis(4-
hidréxifenil)-propano (bisfenol A) e 2,2-bis(3,5-dibromo-4-
hidréxifenil)propano.

QOutros compostos de hidroxi adequados para o preparo de poli-
glicidil éteres e poli(B-metilglicidil) éteres sdo as novolacs obteniveis atravées
de condensacido de aldeidos, tais como formaldeido, acetaldeido, clorai e
furfural, com fendis tais como, por exemplo, fenol, o-cresol, m-cresol, p-
cresol, 3,5-dimetilfenol, 4-clorofenol e 4-terc-butilfenol.

Compostos de poli(N-glicidila) podem ser obtidos, por exemplo,
através de de-hidrocloragdo dos produtos da reagdo de epicloroidrina com
aminas contendo pelo menos dois atomos de amino-hidrogénio, tais como
anilina, n-butilamina, bis(4-aminofenil)metano, bis(4—aminofenil)—pi‘opano,
bis(4-metilaminofenil)metano e bis(4-aminofenil) éter, sulfona e sulféxido.

Outros compostos de poli(N-glicidila) adequados incluem isocianurato de
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triglicidila e derivados de N,N'-diglicidila de avlquilenoureias ciclicas, tais co-
mo etilenoureia e 1,3-propilenoureia e hidantoinas tal como, por exemplo,
5,5-dimetil-hidantoina.

Compostos de poli(S-glicidila) também sdo adequados. Exem-
plos dos mesmos incluem derivados de di-S-glicidila de ditiois, tais como
etano-1,2-ditiol e bis(4-mercaptometilfenil) éter.

Também podem ser levadas em consideragéo resinas de epOxi
nas quais os grupos glicidila ou grupos p-metil glicidila sdo ligados a heteroa-
tomos de diferentes tipos, por exemplo, o derivado de N,N,O-triglicidila de 4-
aminofenol, o glicidil éter/glicidil éster de acido salicilico ou acido p-
hidroxibenzobico, N-glicidil—N'—(2—glicidiléxipropil)—s,5-dimetil—hidantoina e 2-
glicidiloxi-1 ,3-bis(5,5-dimetil-1-glicidil—hidantoina-3-il)propano., ;

Preferéncia é dada aos diglicidil éteres de bisfendis. Exemplos
dos mesmos incluem diglicidil étereAs de bisfenol A, por exemplo, ARALDIT
GY 250, diglicidil éteres de bisfenol F e diglicidil éteres de bisfenol S. Prefe-
réncia especial é dada aos diglicidil éteres de bisfenol A.

Outros compostos de glicidila de importancia técnica s&o 0s gli-
cidil ésteres de acido carboxilico, especialmente acidos di- e policarboxilicos.
Exemplos dos mesmos sdo os glidicil ésteres de acido succinico, acido adi-
pico, acido azelaico, acido sebacico, acido ftalico, acido terefetdlico, acido
tetra- e hexa-hidroftalico, acido isoftalico ou acido trimelitico ou de acidos
graxos dimerizados.

Exemplos de poliepdxidos que ndo sdo compostos de dlicidila
sdo os epdxidos de vinil-ciclo-hexano e diciclopentadieno, 3-(3',4'—epéxiciclo—
hexil)-8,9-epdxi-2,4-dioxaspiro-[5.5]undecano, 0s 3',4'-epoxiciclo-hexil-metil
ésteres de acido 3,4-epoxiciclo-hexanocarboxilico, (3,4-epoxiciclo-hexil-metil
3,4-epoxiciclo-hexanocarboxilato), epdxido de butadieno ou diepdxido de
isopreno, derivados de acido linoleico epoxidado ou polibutadieno epoxida-
do.

Outros compostos de epdxi adequados s&o, por exemplo, mono-
xido de limoneno, dleo de soja epoxidado, resinas de epoxi de bisfenol-A e
bisfenol-F tais como, por exemplo, Araldit’ GY 250 (A), ARALDIT"GY 282
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(F), ARALDIT"GY 285 (F)) e siloxanos fotocuraveis que contém grupos epo-
Xi.

Outros componentes reticuldveis ou cationicamente polimeriza-
veis adequados podem ser encontrados, por exemplo, também na
US 3117099, US 4299938 e US 4339567.

- Do grupo de epéxidos alifaticos sdo especialmente adequados
os epoxidos de o~olefina monofuncionais tendo uma cadeia ndo ramificada
consistindo em 10, 12, 14 ou 16 atomos de carbono.

Em virtude do fato de, hoje em dia, um grande numero de dife-
rentes compostos de epdxi estar comercialmente disponivel, as proprieda-
des do aglutinante podem variar amplamente. Uma possivel variagdo, por
exemplo, dependendo do uso pretendido da composicdo, € o uso de mistu-
ras de diferentes compostos de epoxi e a adigdo de flexibilizantes e diluentes
reativos.

As resinas de epéxi podem ser diluidas com um solvente para
facilitar a aplicacéo, por exemplo, quando a aplicagc@o € realizada através de
pulverizacao, mas o composto de epo6xi €, de preferéncia, usado em um es-
tado sem solvente. Resinas que s3o viscosas a sdlidas em temperatura am-
biente podem ser aplicadas quentes.

Também adequados como componentes reticulaveis sdo todos
os vinil éteres comuns, tais como vinil éteres aromaticos, alifaticos e cicloali-
faticos e também vinil éteres contendo silicio. Esses sdo compostos tendo
pelo menos um, de preferéncia pelo menos dois grupos vinil é&ter na molécu-
la. Exemplos de vinil éteres adequados para uso nas composigdes de acor-
do com a invengdo incluem trietileno glicol divinil éter, 1,4-ciclo-
hexanodimetanol divinil éter, 4-hidroxibutil vinil éter, o propenil éter de car-
bonato de propileno, dodecil vinil éter, terc-butil vinil éter, terc-amil vinil éter,
ciclo-hexil vinil éter, 2-etil-hexil vinil éter, monovinil éter de etileno glicol, bu-
tanodiol monovinil  éter, hexanodiol monovinil  éter, 1,4-ciclo-
hexanodimethanol monovinil éter, dietileno glicol monovinil éter, etileno glicol
divinil éter, etileno glicol butilvinil éter, butano-1,4-diol divinil éter, hexanodiol

divinil éter, dietileno glicol divinil éter, trietileno glicol divinil éter, trietileno gli-
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col metilvinil éter, tetraetileno glicol divinil éter, pluriol-E-200 divinil éter, poli-
tetra-hidrofurano divinil éter-290, trimetilolpropano trivinil éter, dipropileno
glicol divinil éter, octadecil vinil éter, metil éster de acido (4-ciclo-hexil-
metilendxieteno)-glutarico e éster de acido (4-butdxieteno)-iso-ftalico.

Exemplos de compostos contendo hidréxi incluem poliéster poli-
Ois tais como, por exemplo, policaprolactonas ou poliéster adipato polidis,
glicois e poliéter polidis, 6leo de mamona, resinas de vinila e acrilicas hidré-
xi-funcionais, ésteres de celulose, tal como butirato de acetato de celulose e
resinas de fenoxi.

Outras formulagbes cationicamente curaveis podem ser encon-
tradas, por exemplo, na patente EP 119425,

Como componenfe reticulavel, preferéncia ¢ dada a epdxidos
cicloalifaticos ou epoxidos baseados em bisfenol A.

Consequentemente, a composi¢cdo contém pelo menos um com-
posto selecionado do grupo de compostos de epoxi cicloalifaticos, glicidil
éteres, compostos de oxetano, vinil éteres, resinas de melamina reticulaveis
com acido, compostos de hidréximetileno reticulaveis com acido e compos-
tos de alcoxi-metileno reticulaveis com acido.

Se desejado a composicdo também pode contém componentes
polimerizaveis por radical livre, tais como mondémeros, oligbmeros ou polime-
ros etilenicamente insaturados.

Também ¢é possivel usar compostos que podem ser reticulados
igualmente por radical livre e cationicamente. Tais compostos contém, por
exemplo, um grupo vinila € um grupo epodxi cicloalifatico. Exemplos dos
mesmos sdo descritos no JP 2-289611-A e US 6048953.

Misturas de dois ou mais de tais materiais polimerizaveis por
radical livre também podem ser usadas.

Aglutinantes também podem ser adicionados as composicoes,
esses sendo especialmente vantajosos quando os compostos fotopolimeri-
zaveis sdo liquidos ou substancias viscosas. A quantidade de aglutinante
pode ser, por exemplo, de 5 a 95% em peso, de preferéncia de 10 a 90% em

peso e, especialmente, de 40 a 90% em peso, baseado nos solidos totais.
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Os compostos insaturados podem também ser usados em mistura com
componentes de formacao de filme nao fotopolimerizaveis.

As resinas de alquideo usadas como componente reticulavel
contém um grande numero de compostos alifaticos insaturados, pelo menos
alguns dos quais séao poliinsaturados. Os compostos alifaticos insaturados
usados de preferéncia para o preparo dessas resinas de alquideo sdo acidos
monocarboxilicos alifaticos insaturados, especialmente acidos monocarboxi-
licos alifaticos poliinsaturados.

Exemplos de acidos graxos monoinsaturados sdo acido miristo-
leico, acido palmitico, acido oleico, acido gadoleico, acido erucico e acido
ricinoleico. De preferéncia, acidos graxos contendo ligagdes duplas conjuga-
das, tais como acido graxo de 6leo de mamona deidrogenado e/ou acido
graxo de oleo de pinho, sdo usados. Outros acidos monocarboxilicos ade-
quados incluem acido fetrahidrobenzdico e acido abiético hidrogenado ou
ndo hidrogenado ou os isbmeros dos mesmos. Se desejado, o acido mono-
carboxilico em questao pode ser usado totalmente ou parcialmente na forma
de um triglicerideo, por exemplo, como 6leo vegetal, no preparo da resina de
alquideo. Se desejado, misturas de dois ou mais de tais acidos monocarbo-
xilicos ou triglicerideos podem ser usados, opcionalmente na presenca de
um ou mais acidos monocarboxilicos saturados, (ciclo)alifaticos ou aromati-
cos, por exemplo, acido pivalico, acido 2-etil-hexandico, acido laurico, acido
palmitico, acido estearico, acido 4-terc-butil-benzdico, acido ciclo-
pentanocarboxilico, acido nafténico, acido ciclo-hexanocarboxilico, acido 2,4-
dimetilbenzdico, acido 2-metilbenzodico e acido benzdico.

Se desejado, acidos policarboxilicos também podem ser incorpo-
rados na resina de alquideo, tais como acido ftalico, acido isoftalico, acido
tereftalico, acido 5-terc-butilisoftalico, acido trimelitico, acido piromelitico,
acido succinico, acido adipico, acido 2,2,4-trimetilaipico, acido azelaico, aci-
do sebacico, acidos graxos dimerizados, acido ciclopentano-1,2-
dicarboxilico, acido ciclo-hexano-1,2-dicarboxilico, acido 4-metilciclo-hexano-
1,2-dicarboxilico, acido tetrahidroftalico, acido endometileno-ciclo-hexano-

1,2-dicarboxilico, acido butano-1,2,3,4-tetracarboxilico, acido endoisopropili-
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deno-ciclo-hexano-1,2-dicarboxilico, acido ~ ciclo-hexano-1,2,4,5-
tetracarboxilico e acido butano-1,2,3,4-tetracarboxilixo. Se desejado, o 'écido
carboxilico em questdo pode ser usado como um anidrido ou na forma de
um éster, por exemplo, um éster de um alcool tendo de 1 a 4 atomos de car-
bono.

Alem disso, a resina de alquideo pode ser composta de compos-
tos de hidroxila di- ou poli-valentes.

Exemplos de compostos de hidroxila divalentes adequados s&o
etileno glicol, 1,3-propanodiol, 1,6-he;<anodiol, 1,12-dodecanodiol, 3-metil-
1,5-pentanodiol, 2,2 4-trimetil-1,6-hexano-diol, 2,2-dimetil-1,3-propanodiol e
2-metil-2-ciclo-hexil-1,3-propanodiol. Exemplos de tridis adequados sdo gli-
cerol, trimetiloletano e trimetilolpropano. Polidis adequados tendo mais de 3
grupos hidroxila sdo pentaeritritol, sorbitol e produtos eterificados dos com-
postos em questdo, tais como ditrimetilolpropano e di-, tri- e tetra-
pentaeritritol. De preferéncia, compostos tendo 3 a 12 atomos de carbono,
por exemplo, glicerol, pentaeritritol e/ou dipentaeritritol, s&o usados.

As resinas de alquideo podem ser obtidas atraves de esterifica-
c¢ao direta dos constituintes, com a opcdo de que alguns desses componen-
tes podem ja ter sido convertidos aos didis ésteres ou didis de poliéster. Os
acidos graxos insaturados também podem ser usados na forma de um dleo
de secagem, tal como 6leo de linhaga, 6leo de atum, 6leo de mamona hidro-
genado, o6leo de coco e dleo de coco deidrogenado. A resina de alquideo
final €, entdo, obtida através de transesterificagdo com os outros acidos e
diois adicionados. A transesterificacdo €, vantajosamente, realizada em uma
temperatura na faixa de 115 a 250 °C, opcionalmente na presenca de sol-
ventes, ta.is Como tolueno e/ou xileno. A reacgao €, vantajosamente, realizada
na presencga de uma quantidade catalitica de um catalisador de transesterifi-
cagao. Exemplos de catalisadores de transesterificacdo adequados incluem
acidos, tais como acido p-tolueno-sulfénico, compostos basicos, tal como
uma amina ou compostos tais como 6xido de calcio, 6xido de zinco, ortotita-

nato de tetraisopropila, 6xido de dibutilestanho e cloreto de trifenilbenzil fos-

fénio.
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Os compostos de vinil éter, acetal e/ou alcoxissilano usados co-
mo parte do componente reticulavel contém, de preferéncia, pelo menos dois
grupos vinil éter, acetal e/ou alcoxissilano e tém um peso molecular de 150
ou mais. Esses compostos de vinil éter, acetal efou alcoxissilano podem ser
obtidos, por exemplo, através da reagao de um composto de vinil éter, acetal
e/ou alcoxissilano comercialmente disponivel contendo um grupo vinil éter,
acetal e/ou alcoxissilano e, além disso, um maximo de um grupo funcional
amino, epoxi, tiol, isocianato, acrilico, hidreto ou hidroxila com um composto
tendo pelo menos dois grupos capazes de reagir com um grupo amino, epo-
xi, tiol, isocianato, acrilico, hidreto ou hidroxila. Como exemplos dos mesmos
podem ser mencionados compostos tendo pelo menos dois grupos epoxi,
isocianato e/ou éster ou compostos tendo pelo menos dois grupos etilenica-
mente insaturados.

Como polimerizagdo polimerizavel, preferéncia € dada a uma
composigéo na qual os compostos de vinil éter, acetal e/ou alcoxissilano sao
covalentemente ligados a resina de alquideo através de adig&o via um grupo
reativo, tal como um grupo amino, hidroxila, tiol, anidrido, epoxi e/ou isocia-
nato. Para essa finalidade, os compostos devem ter pelo menos um grupo
capaz de formagéo de um aduto com os grupos reativos presentes na resina
de alquideo.

Para incorporar grupos vinil éter na resina de alquideo, uso €
feito de um composto de viniloxialquila, o grupo alquila do qual é substituido
por um grupo reativo, tal como um grupo hidroxila, amino, epoxi ou isociana-
to, que é capaz de formagdo de um aduto com um ou mais dos grupos reati-
vos presentes na resina de alquideo.

Como componente polimerizavel, a preferéncia € dada a compo-
sicbes nas quais a proporg&o do numero de grupos de secagem oxidativa
presentes na resina de alquideo para o numero de grupos que sao reativos
na presenca de um acido esta na faixa de 1/10 a 15/1, especialmente de 1/3
a 5/1. Ao invés de uma Unica resina de alquideo maodificada, também & pos-
sivel usar uma pluralidade de resinas de alquideo, com uma resina de alqui-

deo sendo altamente modificada e as outras sendo menos modificadas ou



10

.20

25

30

36

ndo-modificadas.
Exemplos de compostos de vinil éter capazes de serem covalen-

temente ligados a resina de alquideo sao etileno glicol monovinil éter, buta-
nodiol maonovinil éter, hexanodiol monovinil éter, trietileno glicol monovinil
éter, ciclo-hexanodimetanol monovinil éter, 2-etil-hexanodiol monovinil éter,
poli-tetra-hidrofurano monovinil éter, tetraetileno glicol monovinil éter, trimeti-
lolpropano divinil éter e aminopropil vinil éter.

Adutos podem ser formados, por exemplo, através de reacéo
dos compostos de vinil éter contendo um grupo hidroxila ou grupo amino
com um excesso de um di-isocianato, seguido pela reagdo desse aduto con-
tendo grupo isocianato livre com os grupos hidroxila livres da resina de al-
quideo. De preferéncia, um processo é usado no qual primeiro 0s grupos
hidroxila livres da resina de alquideo reagem com um excesso de um poli-
isocianato e, entdo, os grupos isocianato livres reagem com um composto de
vinil éter contendo grupo amino ou contendo grupo hidroxila. Ao invés de um
di-isocianato, também é possivel usar um diéster. Transesterificagdo dos
grupos hidroxila presentes na resina de alquideo com um excesso de diés-
ter, seguido por transesterificagdo ou transamidagdo dos grupos éster res-
tantes com compostos de vinil éter hidroxi-funcionais ou compostos de vinil
éter amino-funcionais, respectivamente, proporciona resinas de alquideo
vinil éter-funcionais. Também ¢ possivel incorporar grupos (met) acrilato na
resina de alquideo durante o preparo da resina de alquideo, realizando o
preparo na presenca de um éster de (met)acrilato hidréxi-funcional, tal como
metacrilato de hidroxietila (HEMA) e, entdo, reagdo da resina de alquideo
assim funcionalizada por meio de uma reagdo de Michael com um composto
contendo grupo vinil éter e um composto contendo grupo amino primario,
seguido por reacao, por exemplo, com um composto de isocianato, de forma
a obter um atomo de nitrogénio ndo-basico.

Um exemplo de tal reagdo €& descrito, por exemplo, no
WQO99/47617. Esterificacdo de acido graxo de ricinina com dipentaeritritol,
seguido por transesterificagdo dos grupos hidroxila livres com malonato de

dietila e 4-hidroxibutil vinil éter em uma proporgdo adequada proporciona
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uma resina de alquideo vinil-éter-funcional adequada para uso como com-
ponente polimerizavel.

Quando componentes polimerizaveis por radical livre sdo adicio-
nados & formulacdo de acordo com a invengéo, pode ser vantajoso adicionar
também um fotoiniciador de radical livre adequado ou uma mistura de tais
fotoiniciadores.

Um composto qué aumenta a solubilidade do composto catibnica
ou catalicamente polimerizavel ou reticulavel com acido em um revelador
sob a agao de acido.

As misturas fotopolimerizaveis poderh compreender varios aditi-
vos além do fotoiniciador. Exemplos dos mesmos incluem inibidores térmi-
cos, estabilizantes de luz, branqueadores 6pticos, enchedores e pigmentos,
bem como pigmentos brancos e coloridos, corantes, agentes antiestatica,
promotores de adeséo, agentes de umedecimento, auxiliares de fluxo, lubri-
ficantes, ceras, agentes antiadesivo, dispersantes, emulsificantes, antioxi-
dantes: enchedores, por exemplo, talco, gesso, acido silicico, rutilo, negro-
de-carvio, oxido de zinco, 6xidos de ferro; aceleradores de reacao, espes-
santes, agentes de revestimento, antiespumantes e outros adjuvantes co-
muns, por exemplo, em tecnologia de verniz, tinta e revestimento.

A aceleracdo da fotopolimerizagdo também pode ser realizada
adicionando, como outros aditivos, fotossensibilizantes que desviam ou am-
pliam a sensibilidade espectral. Esses s&o, especialmente, compostos de
carbonila aromaticos tais como, por exemplo, benzofenona, tioxantona e es-
pecialmente também isopropiltioxantona, derivados de fenotiazina, antraqui-
nona e derivados de 3-acicumarina, terfenilas, estiril cetonas e 3-
(aroilmetileno)-tiazolinas, canforquinona e também corantes de eosina, ro-

damina e eritrosina e derivados de antraceno tais como, por exemplo, 9-

metilantraceno, 9,10-dimetilantraceno, 9,10-dietéxiantraceno, 9,10-
dibutiloxiantraceno, 9-metodxiantraceno, 9-antracenometanol, especialmente
9,10-dimetdxi-2-etil-antraceno, 9,10-dibutiléxiantraceno e 9,10-

dietdxiantraceno. Outros fotossensibilizantes adequados sdo mencionados,

por exemplo, no WO 98/47046.
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Outros exemplos de fotossensibilizantes adequados sado divul-
gados no WO 06/008251, pagina 36, linha 30 a pagina 38, linha 8, a descri-
¢ao da qual é aqui incorporada por referéncia.

Os sensibilizantes descritos acima s&o comuns na técnica e séo,
consequentemente, usados em quantidades comuns na técnica, de prefe-
réncia em uma concentracdo de 0,05 a 5%, especialmente em uma concen-
tragdo de 0,1 a 2%, baseado na composicéo.

As composigdes de acordo com a invengdo podem, adicional-
mente, compreender outros fotoiniciadores (e) tais como, por exemplo, fotoi-
niciadores catibnicos, formadores fotoacidos e fotoiniciadores de radical livre
como coiniciadores em quantidades de 0,01 a 15%, de preferéncia de 0,1 a
5%.

Também é possivel usar compostos doadores de elétrons tais
como, por exemplo, compostos doadores de alquil e aril amina, na composi-
¢do. Tais compostos sdo, por exemplo, acido 4-di-metilaminobenzdico, 4-
dimetilaminobenzoato de etila, acido 3-dimetilaminobenzdico, 4-
dimetilaminobenzoina, 4-di-metilaminobenzaldeido, 4-
dimetilaminobenzonitrilo e 1,2,4-trimetéxibenzeno. Tais compostos doadores
sao, de preferéncia, usados em uma concentracdo de 0,01 a 5 %, especial-
mente em uma concentracgdo de 0,05 a 0,50 %, baseado na formulacgéo.

Exemplos de fotoiniciadores catidnicos e formadores de acido

sdo sais de fosfénio, sais de diazdnio, sais de piridinio, sais de iodbénio tais

como, por exemplo, tetraquis(pentafiuorofenil)borato de ’iolilcumiiiodénio,

hexafluoroantimonato ou hexafluorofosfato de 4-[(2-hidroxi-
tetradecildxi)fenillfeniliodénio (SarCat® CD 1012; Sartomer), hexafluorofosfa-
to de tolilcumiliodénio, hexafluorofosfato de 4-isobutilfenil-4'-metilfeniliodénio
(IRGACURE"250, Ciba Specialty Chemicals), hexafluorofosfato ou hexafluo-
roantimonato de 4-octiloxifenil-feniliodénio, hexafluoroantimonato ou hexa-
fluorofosfato de bis(dodecilfenill)ioddénio, hexafluorofosfato de bis(4-
metilfenil)ioddnio, hexafluorofosfato de bis(4-metdxifenil)iodénio, hexafluoro-
fosfato de 4-metilfenil-4'-etoxifeniliodonio, hexafluorofosfato de 4-metilfenil-4'-

dodecilfeniliodénio, hexafluorofosfato de 4-metilfenil-4'-fendxifenilioddnio. De
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todos os sais de iodbnio mencionados, compostos com outros dnions séo,
naturalmente, também adequados; outros sais de sulfénio, obteniveis, por
exemplo, sob as marcas comerciais CYRACURE® UVI-6990, CYRACURE®
UVI-6974 (Union Carbide), DEGACURE® Kl 85 (Degussa), SP-55, SP-150,
SP-170 (Asahi Denka), GE UVE 1014 (General Electric), SarCat®Ki-85
(= hexafluorofosfato de triaril-sulfonio;  Sartomer), SarCat® CD 1010
(= hexafluoroantimonato de triaril-sulfénio misturado; Sartomer); Sar-
Cat® CD 1011(= hexafluorofosfato de triaril-sulfénio misturado; Sartomer);
sais de ferrocénio, por exemplo, hexafluorofosfato de (A°-
isopropilbenzeno)(A°-ciclopentadienil)-ferro-ll, nitrobenzil-sulfonatos, alquil- e
aril-N-sulfoniloximidas e outros ésteres de acido alquil-sulfénico conhecidos,
ésteres de acido haloalquil-sulfénico, 1,2-dissulfonas, sulfonatos de oxima,
tosilato de benzoina, tolil-sulfoniléxi-2-hidroxi-2-metil-1-fenil-1-propanona e
outras beta-ceto-sulfonas, beta-sulfonil-sulfonas, - bis(alquil-
sulfonil)diazometano, bis(4-terc-butil-fenil-sulfonil)-diazometano, benzoil-tosil-
diazometano, iminossulfonatos e imidossulfonatos e triclorometil-s-triazinas
conhecidas e outros compostos contendo grupo haloalquila. Exemplos de
outros acidos foto-latentes adicionais (b1) incluem os exemplos de fotoinici-
adores catidbnicos e formadores de &acido, conforme fornecido no
WQOO04/074242, pagina 38, linha 10 a pagina 41, linha 14, bem como os
compostos descritos nos exemplos do W0O04/074242, a descrigao relevante
do qual é incorporada aqui por referéncia.

Exposi¢cdo a radiacdo pode ser seguida por uma etapa de pos-
cura térmica.

As composigdes anteriores sdo eficientemente curadas atraves
de feixe de elétrons ou quando irradiadas com ondas eletromagnéticas na
presenca de gerados fotoacidos e, em particular, fotoiniciadores catidnicos
tais como sais de i6nio, em particular sais de sulfénio e iodénio.

Também adequadas para cura e conversao rapidas a um estado
solido sdo composigdes compreendendo um ou varios mondémeros e oligo-
meros sensiveis a policondensagio catalisada por bases fotolatentes. Bases

fotolatentes sdo, em particular, aminas ou amidinas terciarias foto-latentes.
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Exemplos de bases foto-latentes compreendem compostos da
féormula I: |
Z-A(),
em que:
5 Z é‘um grupo foto-labil; e
A é um grupo precursor de base de amidina ou amina, covalen-

temente ligado a Z.
Exemplos de compostos Z-A sdo compostos de formula

R§ﬁ¢‘ - N “ R!ﬂh
H
U - S
U na qual:
7Ry,
10 Ri101 € fenila, bifenila, naftila, antrila ou antraquinonila a qual é

nao substituida ou substituida por um ou mais dos substituintes C4-Cy-
alquila, C>-Cs-alquenila, CN, OR110, SR119, COOR112, halogénio ou um subs-

tituinte de estrutura (11):

R o
R101 € um substituinte de formula (11):
.o R {np, na qual

113

15 R113 € fenila, bifenila, naftila, antrila ou antraquinonila a qual é
ndo substituida ou substituida por um ou mais dos substituintes C4-Cs-
alquila, C»-Cgs-alquenila, CN, OR110, SR110, COR111, COOR142 0u halogénio;

R114 € hidrogénio;
R115 € hidrogénio ou C4-C4-alquila;

20 R102 € Ryg3 séo, ind'ependentemente um do outro, hidrogénio ou
C,-Cs-alquila;

Ri0s € Riygs juntos formam uma ligagcdo em ponte de C,-Ceg-
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alquileno que é nao substituida ou substituida por um ou mais grupos C4-Cs-
alquila; ou
Rios € Ryo7 juntos formam uma ligagdo em ponte de C,-Cg-

alquileno que é nao substituida ou substituida por um ou mais grupos C4-Cy-

alquila;
R110, R111 € Rq12 séo, independentemente uns dos outros, hidro-
?‘? R, Ry
Ar—C—1—N
. . R, R,
génio ou C1-Cg-alquila; ou compostos de férmula + na qual:
Ar; € um radical aromatico de férmula V ou VIIiI:
RB Rz
R;
oo Re v

(Vi

U e N (Rq7)-
V tem o significado de U ou € uma ligagao direta;
R4 e Rz sd0, cada um independentemente um do outro:

a) Cq-Cqz-alquila a qual € ndo substituida ou substituida por OH,

C1-Cys-alcoxi ou SH,

b) um radical de férmula
iPns

] b=

R

c) um radical de férmula

naqualqgeOou1ou
d) um radical de féormula
—~CH—Ar, |
e) fenila a qual é C¢-Cs-alquila ndo substituida ou substituida;

ou Ry e Ry juntos sdo Cy4-Cg-alquileno ou C3-Cs-oxa-alquileno ramificado ou
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nao ramificado,
Arz, € um radical fenila o qual € ndo substituido ou substituido

por halogénio, OH, C4-C4z-alquila ou é substituido por C¢-Cs-alquila, a qual é
substituida por OH, halogénio, C¢-Cqz-alcéxi, -COOQO(C4-Cs-alquila), -
CO(OCH,CH3),OCH3; ou —OCO(C4-C4-alquila) ou o radical fenila é substitui-
do por Cq-Cys-alcoxi, ((OCH-CH),OH ou —(OCH,CH.),OCH3, com n sendo
1-5;

R3; é C4-Cs-alquila, C,-Cy-alquila a qual é substituida por —OH, -
C+-Cy-alcoxi, -CN ou —COO (C4-Cs-alquila) ou Rz é C3-Cs-alquenila ou fenil-
C,4-Cs-alquila-;

R4 é C4-Cy-alquila, C,-Cy-alquila a qual é substituida por —OH, -
C4-Cy-alcoxi, -CN ou —COO(C4-Cs-alquila) ou Rz € C3-Cs-alquenila ou fenil-
C+-Csz-alquila- ou R3z € R4 juntos sdo C;-Cr-alquileno o qual pode ser inter-
rompido por —O- ou -S-;

Rs, Rs, R7, Rs € Rg sdo, cada um independentemente uns dos

outros, hidrogénio, halogénio, C4-Cqz-alquila, fenila, benzila, benzoila ou um

g W AN

Z & —0-, -S-, -N(R11)-, -N(R11)-R12-N(R1¢)-ou 7
R11 é Cq—C4—anuiIa,
R12 é Cy-Cye-alquileno ramificado ou ndo ramificado o qual pode

©
7
s

grupo —OR17, -SR13, -N(R1g)(R20) Oou

ser interrompido por um ou mais —O- ou —S-;

R13 é hidrogénio ou C4-C;-alquila;

Ri4, Ri5 € Ry s80, cada um independentemente uns dos outros,
hidrogénio ou C4-Cs-alquila ou R44 € R1s juntos sdo C3-Cy-alquileno;

R47 é hidrogénio, C4-Cqz-alquila, C3-Cg-alquenila, C2-Cg-alquila a
qual é substituida por -CN, -OH ou ~-COO (C4-Cy-alquila);

Ris € hidrogénio, C1—C12¥alquila, Cs-Cs-alquenila, C,-Cqz-alquila a
qual é substituida por -OH, -CN, -COO(C-C4-alquila),

Ri9 € Ry sd0, cada um independentemente um do outro, C-Ce-

alquila, C,-Cs-hidréxialquila, Co-Cqg-alcdxialquila, Cs-Cs-alquenila, fenil-Cy4-
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Cs-alquila, fenila a qual é ndo substituida ou substituida por C4-Cs-alquila ou
C1-Cs-alcoxi ou Rig e Ry sdo C,-Cs-alcanoila ou benzoila ou Rig € Ry sédo —
O(CO-C+-Cg)o-OH com o sendo 1-15;

ou Rjy9 € Ry juntos sdo C4-Cs-alquileno o qual pode ser inter-
rompido por —O-, -N(R22)- ou —S- ou Ryg € Ry juntos sdo C4-Cs-alquileno o
qual pode ser substituido por hidroxila, C4-C4-alcoxi ou —COO(C4-Cgs-alquila);

R22 € C4-Cs-alquila, fenil-C4-Cs-alquila, -CH.CH>-COO (C4-Cy-
alquila), -CH>CH,CN, -CH,CH,-COO(CH2CH>0),-H ou

—CH,CH; COO(CH,CH,0)—CO~CH,CH- N N

eqé1-8.

Além do catalisador foto-latente, as misturas fotopolimerizaveis
podem compreender varios aditivos. Exemplos dos mesmos incluem inibido-
res térmicos, estabilizantes de luz, branqueadores o6pticos, enchedores e
pigmentos, bem como pigmentos brancos e coloridos, corantes, agentes an-
tiestatica, promotores de adeséo, agentes de umedecimento, auxiliares de
fluxo, lubrificantes, ceras, agentes antiadesivo, dispersantes, emulsificantes,
antioxidantes; enchedores, por exemplo, talco, gesso, acido silicico, rutilo,
negro-de-carvao, oxido de zinco, oxidos de ferro; aceleradores de reacgéo,
espessantes, agentes de revestimento, antiespumantes e outros adjuvantes
comuns, por exemplo, em tecnologia de verniz, tinta e revestimento

A fotopolimerizagéo também pode ser acelerada através da adi-
¢ao de outros fotossensibilizantes ou coiniciadores (como aditivos) os quais
desviam ou ampliam a sensibilidade espectral. Esses sao, em particular,
compostos aromaticos, por exemplo, benzofenona e derivados da mesma,
tioxantona e derivados da mesma, antraquinona e derivados da mesma, cu-
marina e fenotiazina e derivados das mesmas e também 3-
(aroilmetileno)tiazolinas, rodanina, canforquinona, mas também eosina, ro-
damina, eritrosina, xanteno, tioxanteno, acridina, por exemplo, 9-
fenilacridina, 1,7-bis(9-acridinil)heptano, 1,5-bis(9-acridinil)pentano, corantes

de cianina e merocianina.
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Sistemas oligoméricos/poliméricos particularmente preferidos
sao aglutinantes os quais s&o comuns na indastria e conhecidos por aqueles
versados na técnica.

Exemplos de aglutinantes catalisaveis por base desse tipo sdo:

a) copolimeros acrilicos com grupos laterais alcoxissilano e/ou
alcoxi-siloxano, exemplos sendo os polimeros descrito na US4772672,
US4444974 ou EP1092757;

b) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
contendo hidroxila, poliésteres e/ou poliéteres e poli-isocianatos alifaticos ou
aromaticos;

c) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
funcionais e um componente de epdxido mono- ou multifuncionalizado, o
poliacrilato contendo grupos tiol, amino, carboxila e/ou anidrido conforme
descrito, por exemplo, na patente EP 898202;

d) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
contendo hidroxila, poliésteres e/ou poliésteres e poli-isocianatos alifaticos
ou aromaticos fluor-modificados ou silicone-modificados;

e) sistemas com dois componentes compreendendo (po-
li)cetiminas e poli-isocianatos alifaticos ou aromaticos;

f) sistemas com dois componentes compreendendo (po-
li)cetiminas e resinas acrilicas insaturadas ou resinas de acetoacetato ou
metil a-acrilamido metilglicolato;

g) sistemas com dois componentes compreendendo (po-
li)oxazolidinas e poliacrilatos contendo grupos anidrido ou resinas acrilicas
insaturadas ou poli-isocianatos;

h) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
epoxi-funcionais e poliacrilatos contendo carboxila ou contendo amino;

i) polimeros baseados em alil glicidil éter;

j) sistemas com dois componentes compreendendo um (poli)
alcool e/ou (poli)tiol e um (poli)isocianato;

k) sistemas com dois componentes compreendendo um compos-

to de carbonila a,B-etilenicamente insaturado e um polimero contendo gru-
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pos CH, ativados, os grupos CH; ativados estando presentes na cadeia
principal ou na cadeié lateral ou ambos conforme é descrito, por exemplo, na
patente EP 161697 para grupos (poli)malonato. Outros compostos contendo
grupos CHy; ativados s&o (poli)acetoacetatos e (poli)cianoacetatos;

I) sistemas com dois componentes compreendendo um polimero
contendo grupos CH; ativados, os grupos CH, ativados estando presentes
na cadeia principal ou na cadeia lateral ou ambos ou um polimero contendo
grupos CH, ativados, tais como (poli)acetoacetatos e (poli)cianoacetatos e
um agente de reticulagdo de polialdeido, tal como tereftalaldeido. Tais sis-
temas s&o descritos, por exemplo, em Urankar e colaboradores, Polym. Pre-
pr. (1994), 35, 933;

n) sistemas com dois componentes ou um componente compre-
endendo isocianatos bloqueados e um doador de hidrogénio. Tais sistemas
sdo descritos, por exemplo, no PCT/EP2007/056917, a descrigao do qual é
incorporada aqui por referéncia;

o) sistemas de tiol de Michael. Exemplos sdo descritos por F.
Cellesi e colaboradores em Biomaterials (2004), 25(21), 5115.

Dentro desse grupo de aglutinantes catalisaveis por base, os
seguintes sao particularmente preferidos:

b) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
contendo hidroxila, poliésteres e/ou poliéteres e poli-isocianatos alifaticos ou
aromaticos,

- ¢) sistemas com dois componentes compreendendo poliacrilatos
funcionais € um componente de epdxido mono- ou multifuncionalizado, o
poliacrilato contendo grupos tiol, amino, carboxila e/ou anidrido conforme
descrito, por exemplo, na patente EP 898202;

m) sistemas com dois componentes compreendendo um (poli)
alcool e/ou (poli)tiol e um (poli)isocianato;

n) sistemas com dois componentes compreendendo um com-
posto de carbonila «,B-etilenicamente insaturado e um polimero contendo
grupos CH; ativados, os grupos CH, ativados estando presentes na cadeia

principal ou na cadeia lateral ou ambos. Exposicdo a radiagdo pode ser se-
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guida por uma etapa de pds-cura térmica.

Também adequadas para cura e conversao rapidas em um es-
tado sdlido sdo composigbes consistindo em combinagdes dos produtos an-
teriormente mencionados, frequentemente denominados como sistema de
cura hibridos. Outros aditivos que nao catalisadores, enchedores, resinas,
pré-polimeros também podem ser adicionados para melhorar as proprieda-
des de cura, do filme/camada curada e separagido da cunha de formacéo de
imagem.

O verniz ou revestimento a ser polimerizado tera uma viscosida-
de e mais geralmente uma reologia adaptada ao processo de revestimento
ou impressao usado que permite uma transferéncia eficiente e, de preferén-
cia, consistente em uma espessura de filme Umido muito superior a profun-
didade da imagem ou padrao de rede de difragdo submicroscdpica, hologra-
fica (OVI). Em geral, a camada de revestimento Umida sera compreendida
entre 0,1 e 100 Um e, de preferéncia, 1 a 25 Om.

Um grande numero dos mais variados tipos de fonte de luz pode
ser usado. Fontes de ponto e radiadores de plataforma (séries de lampadas)
sdo adequados. Exemplos sdo lampadas a arco de carbono, lampadas a
arco de xenc‘miyo, radiadores de mercirio de média pressao, pressdo superal-
ta, alta pressao e baixa pressdo dopados, onde apropriado, com haletos de
metal (lampadas de haleto de metal), ld&mpadas a vapor de metal excitadas
por microondas, ldmpadas de excimero, tubos fluorescentes superactinicos,
lAmpadas fluorescentes, IAmpadas incandescentes de argdnio, lampadas de
queima, ldmpadas intermitentes fotograficas, diodos que emitem luz (LED),
feixes de elétrons e raios X. Vantajosamente, a dose de radiagado usada na
etapa c) do processo €, por exemplo, de 1 a 1000 mdJ/cm?. Quando a lampa-
da é uma lampada de mercurio de média pressao, ela pode ter uma energia
na faixa de 40-450 Watts. De preferéncia, a lampada de UV esta disposta
sobre (placa) ou sob (cilindro) o meio para formagéo de imagem opticamente
variavel.

A fonte de luz UV pode compreender uma lampada. A lampada
pode ter uma energia na faixa de 200-450 Watts. De preferéncia, a ldmpada
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de UV esta disposta sobre (placa) ou sob (cilindro) o meio para formagao de
imagem opticamente variavel.

Em uma modalidade, a velocidade de transferéncia da imagem
ou padrédo de difragdo de rede submicroscopica, holografica (OVI) sobre a
superficie do verniz impresso variara de acordo com a energia das lampadas
de cura. De preferéncia, a velocidade de transferéncia esta na faixa de 10
metros a 20.000 metros pode hora, mais preferivelmente 18.000 metros por
hora. Enquanto em contato com o verniz, a rede de difragdo submicroscdpi-
ca ou hologréfica & formada sobre a superficie do verniz curavel por ultravio-
leta disposto sobre a superficie superior do substrato.

A tinta metalica pode ser aplicada ao substrato por meio de um
prelo convencional, tal como processo de gravura, rotogravura, flexografico,
litografico, offset, intaglio e/ou tele ou outro processo de impresséo. O subs-
trato pode, entdo, ser reenrolado para subsequente impressao off line em
um estagio posterior ou, alternativamente, o substrato pode ser pré-impresso
in line ou off line ou subsequentemente impresso in line.

Uma tinta baseada em metal pode compreender particulas de
pigmento de metal e um aglutinante.

As particulas de pigmento de metal podem compreender qual-
quer metal adequado. Exemplos nao-limitativos de materiais metalicos ade-
quados incluem aluminio, prata, cobre, ouro, platina, estanho, titanio, pala-
dio, niquel, cobalto, rdédio, nidbio, ago inoxidavel, nicromo, cromo e compos-
tos, combinagdes ou ligas dos mesmos. As particulas podem compreender
qualquer um ou mais selecionados do grupo compreendendo aluminio, ouro,
prata, platina e cobre. De preferéncia, as particulas compreendem flocos de
aluminio, prata e/ou cobre.

A tinta metalica pode ser preparada através de qualquer meio
conhecido por aqueles versados na técnica. De preferéncia, um filme trans-
portador transparente de 12 microns de espessura, tal como tereftalato de
polietileno obtido da DuPont Films Wilmington. Del. (Product ID Melinex HS-
2) de dois metros de largura é revestido com gravura com uma resina acrili-
ca de metacrilato de isobutila obtida da DuPont (ID de Produto Elvacite
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2045) e seca por meio de ar quente. Em uma segunda operacao, o filme re-
vestido com acrilico é revestido por depdsito com aluminio por meio de uma
cédmara a vacuo rolo a rolo. A taxa de depdsito e espessura da camada de
aluminio vaporizada sobre o revestimento acrilico impresso sdo precisamen-
te controladas através de monitoramento continuo da densidade 6ptica du-
rante a fabricacdo. A faixa de operagdo de depdsito a vacuo pode estar na
faixa de 100 a 500 angstroms de espessura, a espessura preferida estando
na faixa de 190 a 210 angstroms de espessura.

A densidade optica pode estar na faixa de 0,2 a 0,8, conforme
medido sobre o densitometro de McBeth. De preferéncia, a faixa de € 0,5 a
0,8. Mais preferivelmente, a densidade 6ptica é de 0,7, conforme medido
sobre o densitdbmetro de McBeth.

A camada de metal pode compreender aluminio, ago inoxidavel,
nicromo, ouro, prata, platina ou qualquer outro metal o qual pode ser vapori-
zado e depositado através de depdsito a vacuo ou aplicado através de dis-
persdo ou deposito a feixe de elétrons. De preferéncia, a camada de metal
compreende aluminio.

A camada de aluminio pode ser removida do filme transportador
por meio de dissolugdo da camada de suporte acrilica em um banho conten-
do acetato de etila que libera a camada de aluminio do filme transportador.
O aluminio resultante na forma de um floco espesso na solugdo de resina
pode, entdo, ser lavado em um processo de centrifugagdo com muitiplos es-
tagios para remover a resina acrilica. Os flocos de aluminio espessos sio
misturados com acetato de etila e desintegrados através de um processo de
mistura em cisalhamento elevado para produzir uma distribuicdo de tamanho
de particula controlada. O didmetro médio de particula pode estar na faixa
de 8 a 15 microns, a faixa preferida sendo 9 a 10 microns de didmetro, con-
forme medido por um granuldmetro de difragao a l.a.s.e.r. Coulter LS130.

De forma que o padrdo ou imagem de rede de difragcdo submi-
croscopica ou holografica seja claramente visivel sobre as primeira e segun-
da superficies de um substrato filmico claro e a primeira superficie de um

substrato de papel, de preferéncia, o aluminio ou outros flocos s&o impres-
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sos de uma forma tal a se alinhar com os contornos do cdmprimento de on-
da do padrdo ou imagem de rede de difragdo submicroscépica, holografica
ou outra, de modo que os flocos se conformam a e seguem os contornos da
rede de difracgao.

Para realizar esse alinhamento de flocos aos contornos do com-
primento de onda da rede de difragao, isto &, a distancia entre o pico e pico
ou vale a vale do contorno submicroscépico, a tinta metalica especificamente
formulada tem, de preferéncia, um teor de aglutinante muito baixo, alta pro-
parcdo de pigmento para aglutinante e um floco de aluminio muito fino, de
preferéncia na faixa de 9 a 10 microns, consistente para manter boa adesao
da tinta & superficie ou padrdo ou imagem de difragdo submicroscopica ou
holografica.

O aglutinante pode compreender qualquer um ou mais selecio-
nado do grupo compreendendo nitro celulose, cloreto de vini}a, copolimeros
de acetato de vinila, vinila, acrilico, uretano, tereftalato de polietileno, terpeno -
fenol, poliolefina, silicone, celulose, poliamida, resinas de éster de rosina. O
aglutinante preferido € nitrocelulose a 50% (ID nitroceIUIose DHL120/170 e
nitrocelulose DLX30/50, fornecidas pela Nobel Industries), poliuretano a 50%
(ID Neorez U335, fornecido pela Avecia). Os solventes podem ser misturas
de alcool/éster e, de preferéncia, acetato de propila normal e etanol em uma
proporgéo de 20:1 a 30:1.

A proporcao de pigmento para aglutinante preferida €, em peso,
na faixa de 1,5:1 a 3,0:1, de preferéncia 2,5:1. O teor de pigmento de metal
da tinta pode estar na faixa de 2% a 4% em peso e, de preferéncia, 3%.

O meio para formagdo de uma rede de difragéo pode compreen-
der uma cunha ou rolo sem costura. A cunha ou rolo pode ser fabricado de
qualquer material transparente adequado tal como, por exempla, poliéster.
Cunhas de poliéster podem ser feitas através de revestimento de poliéster
com um verniz curavel por ultravioleta e copia, por contato, da imagem mes-
tre e cura da imagem transferida por meio de luz ultravioleta. Em uma moda-
lidade preferida, uma folha acrilica é revestida com verniz/esmalte UV; uma

cunha de niquel contendo as imagens €, entdo, aplicada sob pressao a folha
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acrilica umida e, entdo, o verniz/esmalte é curado através da folha acrilica
clara. E requerido um veriz/esmalte UV que venha a aderir ao acrilico e ndo
a cunha de niquel quando curado.

O verniz de UV pode compreender epdxi-acrilato da série CRAY-
NOR® Sartomer Europe (10 a 60%) e um ou varios acrilatos (monofuncio-
nais e multifuncionais), mondmeros os quais estdo disponiveis de Sartomer
Europe (20 a 90%) e um ou varios fotoiniciadores (1 a 15%), tal como Daro-
cure® 1173 e um agente de nivelamento, tal como BYK®361 (0,01 a 1%) da
BYK Chemie.

Cilindros sem costura podem ser feitos através de revestimento
de poliéster com um verniz curavel por ultravioleta e copia, por contato, da
imagem mestre e cura da imagem transferida por meio de luz ultravioleta.

A invencdo também refere-se a um método para produgao de
um cilindro de transferéncia sem costura para a produgéo e uso de dispositi-
vos e padrdes opticamente variaveis em impressdo. Mais particularmente, a
invengao é dirigida a um método de fabricag&o de um cilindro com redes de
difragdo opticamente varidveis e outras submicroscopicas construidas para
obscurecer as linhas de unido perceptiveis e costuras associadas aos siste-
mas de gravagao em relevo convencionais usando cunhas de niguel como o
veiculo para conferir a rede a um substrato.

O método préferido para a construgdo do cilindro & gravar em
relevo uma estrutura de rede OVD, tal como um holograma, rede linear de
feixe de elétrons ou outras redes submicroscopicas refrativas, em um rolo de
polipropileno biaxiaimente orientado (BOPP) claro tendo uma espessura na
faixa de 20 a 100 microns. De preferéncia, a estrutura holografica ou outra
rede ou nenhuma imagem holografica pode ser conferida a superficie do
filme de BOPP por meio de gravacédo em relevo dura, um método o qual em-
prega cunhas de niquel normalmente na faixa de 150 mm a 300 mm qua-
drados. As cunhas de niquel sdo aquecidas e a estrutura de rede é compri-
mida na superficie do fiime de BOPP. Nenhuma imagem ou estrutura holo-

gréfica, tais como redes em diamante, manualmente processadas ou similar

pode ser uma imagem gravada.
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Em seguida, um cilindro € colocado em um cdnjunto padroniza-
do usado para revestimento e decoragdo com as estruturas de rede e ¢ lim-
po. O comprimento requerido do filme de BOPP gravado em relevo é ligei-
ramente maior do que a area de superficie do cilindro. Uma fita com baixa
adesividade é aplicada a superficie do cilindro e o fime de BOPP gravado
em relevo ¢ aderido ao cilindro ao longo de uma borda horizontalmente; as-
segurando que a superficie gravada em relevo esta voltada para o cilindro.
Ent3o, o filme de BOPP gravado em relevo é dobrado sobre a borda da fita,
de modo que a superficie de gravagao em relevo esteja voltada para cima.
Uma quantidade de adesivo UV é passada ao longo de um rolo exatamente -
abaixo da borda com fita. O filme de BOPP é dobrado e passado através de
um estreitamento e mantido na borda anterior do estreitamento do filme, pelo
que o adesivo se espalha sobre o filme e sobre a superficie do cilindro. A
area revestida é' curada usando uma fonte de luz UV. Entao, o cilindro &
passado através do resto do estreitamento até que o filme de BOPP esteja
claro. O filme de BOPP é descamado da borda sem fita primeiro, em que a

imagem é transferida para o rolo via o adesivo UV. O filme de BOPP e a fita

‘s80 removidos.

A borda traseira é limpa e o processo acima € repetido, assegu-
rando que o filme de BOPP esta sobre a superficie superior da imagem da
borda traseira ou precisamente alinhado com a imagem. O processo € repe-
tido até que o cilindro esteja coberto com a imagem. O cilindro é removido e
colocado em um equipamento de fundigdo de silicone. O envoltério externo
do equipamento de fundigdo é um estojo dividido. Isso & para permitir a re-
mogcéo do cilindro e silicone uma vez fundido. Quando o cilindro esta no lu-
gar, o vao entre a superficie do cilindro e as paredes internas do equipamen-
to esta cheio de silicone. Esse silicone curado néo &, além disso, um silicone
de Vulcanizagéo em Temperatura Ambiente (RTV). O sistema de fundicdo
também pode ser feito de acrilico claro, o qual também pode ser uma fundi-
cao dividida. Ao invés de usar uma adigao de silicone curado, um silicone de
cura por UV pode ser usado. Uma vez que o sistema esta cheio de silicone

UV, ele pode ser curado através da parede acrilica clara. Uma vez curado, o
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envoltdrio de fundicdo € dividido e o cilindro com a superficie de silicone cu-
rado € removida. O rolo e o silicone curado sdo colocados em um equipa-
mento de remogado a vacuo. Um vacuo € aplicado para retirar o silicone do
rolo e remover o rolo. Entdo, o molde de silicone € removido e colocado em
um segundo equipamento de fundigdo dividido, o lugar no mandril de trans-
feréncia de fundigdo. Uma resina de cura térmica é enchida entre o silicone
e o mandril de fundigdo, a resina é curada. O envoltério de fundi¢do é dividi-
do e o silicone e rolo curado sdo removidos, quando a resina € curada. O
rolo e silicone curado séo colocados em um equipamento de remogéo a va-
cuo conforme descrito acima e o mandril com a resina curada € removido.

A resina é curada. O envoltdrio de fundigéo € dividido e o silico-
ne e rolo curado sdao removidos, quando a resina € curada. O rolo e silicone
curado sao colocados em um equipamento de remog&o a vacuo, conforme
descrito acima, e o mandril com a resina curada € removido. |

O mandril com a resina curada esta agora pronto para transfe-
réncia das redes por meio do processo da presente invengéo. '

Além disso, na primeira parte do processo, o cilindro descorado,
antes de fundigdo, também pode ser usado para gravagdo em relevo macia
convencional. Se um sistema de UV ¢é usado o qual ndo reage com a UV
usada na transferéncia das redes usando o processo da presente invengéo,
ele também pode ser usado para gravagédo em relevo por UV.

Em outra modalidade, um cilindro é revestido com uma resina
curavel por ultravioleta, colocando um filme de transferéncia claro com um
padrdo ou imagem de difragdo submicroscépica ou holografica na superficie
da resina ultravioleta via um estreitamento e curado com luz ultravioleta. O
cilindro pode, entdo, ser subsequentemente fundido, conforme descrito aci-
ma, e usado para transferir diretamente o padrdo ou imagem de difracdo
submicroscdopica ou holografica para a superficie de um verniz curado por
ultravioleta impresso sobre a primeira superficie de um substrato. Alternati-
vamente, o substrato pode ser subsequentemente impresso com tinta meta-
lica off-line sobre um equipamento de impressao convencional.

A superficie superior do substrato pode ser impressa com uma
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tinta metalica em registro distinto, isto €, em registro com outra impressé&o ja
impressa sobre o documento, etc. ou em uma posi¢ado sobre o documento,
etc., de modo que outra impressdo subsequente pode ocorrer e/ou areas
que nao estdo em registro como imagens/padrdées ou em uma faixa em re-
gistro distinto e/ou n&o estdo em registro ou sobre toda a superficie do subs-
trato. O substrato pode, entdo, passar através de um rolo de estreitamento
para um cilindro trazendo o padrdo ou imagem de rede de difragdo submi-
croscopica, holografica ou outra na forma de uma cunha de poliéster afixada
a superficie de um cilindro. Em uma modalidade preferida, as imagens ou
padrdoes sdo mantidos sobre um cilindro sem costura com o padrdo ou ima-
gem submicroscopica sobre o0 mesmo, de modo que a precisdo da transfe-
réncia pode ser aprimorada no cilindro. A imagem opticamente variavel
submicroscopica ou rede holografica pode, entado, ser transferida da cunha
ou rolo sem costura para a superficie do verniz ultravioleta exposto manten-
do a superficie da cunha ou rolo sem costura em contato com a superficie do
verniz ultravioleta exposto. Uma fonte de luz ultravioleta pode ser exposta
através da superficie do meio que forma a OVI transparente e cura instanta-
neamente o verniz através de exposigao a luz ultravioleta. As fontes de luz
ultravioleta podem ser l@mpadas na faixa de 200 watts a 450 watts dispostas
dentro do cilindro, curando através do verniz ultravioleta impresso e fixando
a rede de difragdo submicroscopica ou holografica transferida.

Modalidades especificas da presente invengdo serdo agora des-
critas, a guisa de exemplo apenas, com referéncia aos exemplos e figuras
em anexo, nas quais:

. A Figura 1 € uma representagdo esquematica de um processo
para criagao de uma imagem opticamente variavel de acordo com a presen-
te invencdo usando um verniz curavel por ultravioleta direto sobre-impresso
com tinta metélica;

A Figura 1a mostra um sistema de correia compreendendo um
tubo de quartzo tendo uma lampada de UV montada dentro, um rolo de a-

cionamento resfriado e uma correia de silicone-poliéster contendo a imagem

holografica;
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A Figura 2 é uma representagdo esquematica do processo da
Figura 1 invertido;

A Figura 3 é uma representagdo esquematica de um processo
para criagdo de uma rede de difragdo submicroscopica, holografica ou outra
de acordo com a presente invengdo usando uma tinta metalica curavel por
ultravioleta; '

A Figura 4 é uma representagdo esquematica do processo da
Figura 3 invertido;

A Figura 5 é uma representagéo esquematica de um processo
de impress3o convencional tendo uma estagdo de gravagao em relevo adi-
cionada em linha;

A Figura 6 é uma representagdo esquematica de um processo
de impress3o convencional tendo uma estagéo de gravagao em relevo adi-
cionada em linha; |

A Figura 7 € uma vista em perspectiva de uma representagao
esquematica, conforme mostrado nas Figs. 3, 4 e 6;

A Figura 8 é uma vista em perspectiva de uma representagao
esquématica de um processo para formagao de uma rede de difragdo sub-
microscopica, hologréafica ou outra em um substrato de acordo com a pre-
sente invencao em registro;

A Figura 9 é uma vista em perspectiva de uma representagao
esquematica de um processo para formagao de uma rede de difracdo sub-
microscopica, holografica ou outra usando uma rede;

A Figura 10 é uma vista em perspectiva de uma representacao
esquematica usando, para formagéo, uma rede de difracdo sobre um subs-
trato ndo passivel de gravagdo em relevo em registro;

A Figura 11 é uma vista em perspectiva de uma representacio
esquematica de um processo para formagao de uma rede de difragdo néao
em regqistro;

A Figura 12 é uma vista esquematica seccional transversal de

uma modalidade de acordo com a presente invengéo; e
A Figura 13 é uma vista esquematica seccional transversal de
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uma modalidade de acordo com a presente invengao.

Exemplo 1: Impressdo holografica curavel por ultravioleta direta sobre-

impressa com tinta metalica especialmente formulada (filme)

Fazendo referéncia a Figura 1, papel, aluminio ou outros subs-
tratos opacos (1) sdo impressos com um verniz curavel por ultravioleta (2)
sobre sua superficie inferior. Um dispositivo opticamente variavel ou outra
estrutura em lente ou gravada em relevo é fundida (3) na superficie do verniz
(2) com uma cunha clara (4) tendo o dispositivo opticamente variavel ou ou-
tra estrutura em lente ou gravada em relevo sobre a mesma. O dispositivo
opticamente variavel ou outra imagem de estrutura em lente ou gravada em
relevo & conferida ao verniz e instantaneamente curada (6) via uma idmpada
de UV disposta através da cunha (4) em velocidades de processamento
normais através de uma lente de polarizacdo (8), rolo de quartzo (6) e rolo
de policarbonato claro (5). O dispositivo opticamente variavel ou outra ima-
gem de estrutura em lente ou gravada em relevo € um fac-simile da imagem
sobre a cunha clara. A tinta metalica (9) é impressa (10) sobre o dispositivo
opticamente variavel ou outra estrutura em lente ou gravada em relevo e faz
com que o dispositivo opticamente variavel ou outra estrutura em lente ou
gravada em relevo se torne reflexiva a luz. Outras cores (11) podem ser
subsequentemente impressas de modo convencional em linha em velocida-
des de processo de impressao normais.

Em uma modalidade alternativa, o papel, aluminio e todos os
tipos de outro substrato opaco (1) & substituido por um substrato filmico. Tal
material € substancialmente transparente e, portanto, a imagem é visivel
sobre ambos os lados da superficie.

Ao invés do meio de formagdo de imagem opticamente variavel
mostrado na Figura 1 (um cilindro transparente de quartzo compreendendo
um material plastico transparente trazendo a imagem opticamente variavel a
ser aplicada), um sistema de correia, conforme mostrado na Figura 1a, pode
ser usado.

O sistema de correia compreende um tubo de quartzo tendo

uma lampada de UV montada dentro, um rolo de acionamento resfriado e
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uma correia de silicone-poliéster contendo a imagem holografica. A correia
de silicone-poliéster circula em torno do tubo de quartzo e do rolo de acio-
namento resfriado. ¥

Um papel, aluminio ou outros substratos opacos sdo impresso
com um verniz curavel por ultravioleta sobre sua superficie inferior. A ima-
gem opticamente variavel é conferida ao verniz usando a correija de silicone-
poliéster, em que rolos de estreitamento sdo usados para assegurar contato
suficiente entre a correia de silicone-poliéster e o substrato revestido de ver-
niz.
Exemplo 2: Reverso do Exemplo 1, acima (filme)

Conforme mostrado na Figura 2, papel, aluminio ou outro subs-

trato opaco (1) € convencionalmente impresso com uma série de tintas colo-
ridas. Usando, por exemplo, uma impressora Cerutti R950 (disponivel da
Cerrutti UK Long Hanborough Oxon) (11), o substrato (1) &, entdo, impresso
com um verniz curavel por ultravioleta (2) sobre a superficie de um papel,
aluminio ou outro substrato opaco (1). Um dispositivo opticamente variavel e
outra estrutura em lente gravada em relevo é fundida (3) na superficie do
verniz (2) com uma cunha clara (4) tendo o dispositivo opticamente variavel
e outra estrutura em lente ou gravada em relevo sobre a mesma, o dispositi-
vo opticamente variavel e outra imagem de estrutura em lente ou gravada
em relevo & conferida ao verniz e instantaneamente curada (7) via uma lam-
pada de UV em velocidades de processamento normais atraveés da lente de
polarizagao (8), rolo de quartzo (6) e rolo de policarbonato claro (5), se tor-
nando um fac-simile da imagem disposta sobre a cunha clara (4). Uma tinta
metalica (9) € impressa (10) sobre o dispositivo opticamente variavel e outra
estrutura em lente e gravada em relevo e faz com que o dispositivo optica-
mente variavel e outra estrutura em lente e gravada em relevo se torna refle-
xiva a luz.

Em uma modalidade alternativa, um primer de UV, o qual é apli-
cado ao substrato quando exposto a fonte de luz UV, & pré-curado. A pré-
cura hao € completa, mas estavel o bastante para ter recebido o padrdo de

difragdo ou série de imagens submicroscépicas. O revestimento pré-curado
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é, entdo, exposto a uma fonte de luz UV adicional e totalmente curado. Na
referida modalidade, alternativamente aos primers de UV de sistemas do tipo
radical livre, sistemas catiénicos podem ser usados.

Além de excelente adesdo a metais e poliolefinas e outros plas-
ticos, produtos baseados em epdxi catidonicos podem oferecer outros benefi-
cios tais como, por exemplo, baixa retragdo quando de cura, boa flexibilida-
de, baixo odor na formulagao e filme curado. Baixa toxicidade e irritagcido pa-
ra a pele, nenhuma inibigdo de oxigénio, propriedades aperfeicoadas de bar-
reira ao gas, boas propriedades elétricas, alta resisténcia quimica e a sol-
ventes e menor viscosidade das resinas poderiam auxiliar na capacidade de
impressao.

Em uma modalidade alternativa, o papel, aluminio e todos os
tipos de outros substratos opacos (1) é substituido por um substrato filmico.
Tal material é substancialmente transparente e, portanto, a imagem é visivel
de ambos os lados da superficie.

Conforme mostrado na Figura 2, um substrato filmico (1) é con-
vencionalmente impresso com uma série de tintas coloridas usando, por e-
xemplo, uma impressora Cerutti R950 (disponivel da Cerrutti UK Long Han-
borough Oxon) (8). O substrato (1) é, entdo, impresso com um verniz curavel
por ultravioleta (2). Uma OVI é fundida (3) na superficie do verniz (2) com
uma cunha polimérica transparente (4) tendo a OVI sobre a mesma, a ima-
gem holografica é conferida ao verniz e instantaneamente curada (5) via
uma i@mpada de UV (ndo mostrada), se tornando um fac-simile da OVI dis-
posta sobre a cunha. Uma tinta metalica (6) € impressa (7) sobre a OVl e faz
com que a OVI se torna reflexiva a luz, a OVI é visivel sobre a primeira su-
perficie de um papel ou outro substrato nao filmico e ambos os lados do
substrato filmico.

Em outra modalidade, o verniz curavel por UV é substituido por
um verniz curavel por feixe eletrébnico e a lampada de UV é substituida por
um dispositivo de emissdo de feixe de elétrons.

Exemplo 3: UV direta (tinta curavel por UV)

Fazendo referéncia a Figura 3, uma variante curavel por UV da
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tinta metalica € impressa sobre o substrato (1) em e/ou fora de registro u-
sando um equipamento de impressao e revestimento padrdes, incluindo um
processo de rotogravura, flexografico, litografico, em tela e outros métodos
de impressdao em qualquer superficie de substrato compativel. O cilindro de
gravacao em relevo é mantido em contato direto com a tinta metalizada (2).
Enquanto em um estado liquido, a tinta é rapidamente curada de modo vir-
tualmente instantdneo usando uma fonte de luz UV (3), através do cilindro
de gravagdo em relevo enquanto o cilindro de gravacédo em relevo permane-
ce em contato direto com a tinta metalica. A tenséo de superficie do substra-
to sendo maior do que aquela da cunha de gravagdo em relevo, matriz ou
cilindro faz com que a tinta venha a aderir ao substrato ao invés de a cunha
de gravacao em relevo, em um estado curado, reproduzindo e retendo as
caracteristicas de superficie, integridade, estrutura holografica, difrativa ou
outra submicroscoépica bu propriedades e efeitos de microtextura dentro da
tinta metalizada, a qual esta agora incorporada sobre a superficie do subs-
trato. _
Exempio 4: Inverso do Exemplo 3, acima

A Figura 4 mostra o uso de uma variante curavel por UV da tinta

metalica. Uma maquina de gravacao em relevo do tipo UV é usada. A tinta &
impressa (1) emvou fora de registro usando equipamento de impressao e
revestimento padrao, incluindo métodos de rotogravura/flexograficos em
qualquer superficie de substrato compativel. O cilindro de gravagdo em rele-
vo & mantido em contato direto com a tinta metalizada (2). Enquanto em um
estado liquido, a tinta é rapidamente (virtualmente instantdnea) curadab u-
sando uma fonte de luz UV (3), através do cilindro de gravagao em relevo
enquanto o cilindro de gravagdo em relevo permanece em contato direto
com a tinta metalica. A tensdo de superficie do substrato sendo maior do
que aquela da cunha de gravagao em relevo, matriz ou cilindro faz com que
a tinta venha a aderir ao substrato ao invés de a cunha de gravagédo em re-
levo, em um estado curado, reproduzindo e retendo as caracteristicas de
superficie, integridade, estrutura holografica, difrativa ou outra submicrosco-

pica ou propriedades e efeitos de microtextura dentro da tinta metalizada, a
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qual esta agora incorporada sobre a superficie do substrato.

Exemplo 5: Impressdo em linha
A Figura 5 mostra que um prelo de impressdo de rotogravura,

flexografico por UV ou similar convencional pode ter uma estagao extra adi-
cionada, essa sendo uma estagao de gravagdo em relevo (1). Usando qual-
quer filme passivel de gravagdo em relevo (2), quer filme/substrato nati-
vo/bruto, tais como BOPPs coextrudados, poliolefinas, poliésteres e celulose
ou pré-revestidos/envernizados. O substrato é primeiro gravado em relevo
(1), entdo, impresso (segunda estacg&o) (3) usando uma tinta metalica espe-
cialmente formulada para produzir o efeito metalico. Impresséao convencional
(4) pode também ser realizada no mesmo prelo. Uma vez que a tinta & for-
mulada como uma tinta normal, métodos de impressdo convencionais po-
dem ser utilizados. A impressio da tinta metdlica pode ser em qualquer par-
te na rede; ela ndo tem de vir diretamente apds gravagdo em relevo. Se um
codificador, por exemplo, uma maquina de indexagéo, a qual marca a folha
ou trama, de modo que a marca pode ser reconhecida pelo operador de im-
pressao (5) é colocada na area de gravagéo em relevo e a cabeca de grava-
cao em relevo tem areas especificadas de formagao de imagem, entdo, re-
gistro para impresséo pode ser obtido. Impressao da tinta metalica pode ser
solida, semi translucida, etc., com o efeito resultante sendo que, em um pas-
se do prelo, metalizacdo, semimetalizagcdo, desmetalizagao e impressao
normal de cores em registro ou ndo pode ser obtida. A tinta metalica especi-
ficamente formulada pode ser impressa sobre qualquer lado do filme, contu-
do, geralmente, isso sera realizado sobre o lado gravado em relevo para en-
capsular a imagem/padrao holografico gravado em relevo, de modo que ele
permanece intacto se entra em contato com quaisquer agentes de enchi-
mento tais como 'liquidos, gordura, solvente, vernizes, tintas ou quaisquer
outros contaminantes de superficie ou corpos estranhos de qualquer tipo

Exemplo 6: Impressdo em linha dupla

Um prelo de impressdo convencional tal como, por exemplo, de
rotogravura ou flexografico por UV, pode ter uma estacdo extra adicionada,

essa sendo uma estacdo de gravagédo em relevo. Utilizando uma estagédo de
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impressao existente ou adicionando uma extra (2), um revestimento subs-
tancialmente transparente passivel de gravagao em relevo holografico pode
ser impresso, revestido ou depositado (esse revestimento/verniz geraimente
sendo baseado em nitrocelulose, com solvente evaporado), quer sobre toda
a superficie do substrato, parciaimente ou impresso em registro (para poste-
rior registro novamente por subsequentes estagdes de gravagdo em relevo
e/ou impressao/revestimento). Essa area esta, entdo, pronta para ser grava-
da em relevo e elimina a necessidade de filmes/substratos pré-
revestidos/envernizados.

A Figura 6 mostra um substrato primeiro revestido/envernizado
(primeira estagao) (2), entdo, gravado em relevo (segunda estacado) (1) e,
entdo, usando uma terceira estagdo de impressdo de rotogravu-
ra/flexografica convencional (3), impressao da tinta metalizada especialmen-
te formulada sobre o lado gravado em relevo do substrato/filme, produzindo
o efeito metalizado em prata reflexivo. Entéao, impressao de outras tintas po-
de ser realizada conforme normal (4). A tinta metalizada especialmente for-
mulada pode ser impressa sobre qualquer lado do filme, contudo, em geral,
isso sera realizado sobre o lado gravado em relevo, para encapsular a ima-
gem/padréo holografico gravado em relevo, de modo que ele permanece
intacto se entra em contato com quaisquer agentes de enchimento tais como
liguidos, gordura, solvente, vernizes, tintas ou quaisquer outros contaminan-
tes de sUperﬁcie ou corpos estranhos de qualquer tipo.

Exemplo 7: Transferéncia
A Figura 7 é um filme que tem um revestimento de liberagao,

quer aplicado/revestido em linha ou & parte do design/construgdo do fil-
me/substrato intencionalmente ou ndo é gravado em relevo (conforme nas
Figuras 5/6/8) e, entdo, impresso com a tinta metalica, quer em registro ou
nao (1) e, entdo, um adesivo (2) & aplicado contra toda a imagem ou em re-
gistro com a imagem gravada em relevo, entdo, laminado em varios substra-
tos (papel, papeldo, filme) (3). Uma vez que o adesivo é curado, quer infon
ou off line, o filme pode, entao, ser retirado (4), deixando a area gravada em

relevo e metalica sobre o substrato (5); essa area transferida pode ser sub-
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sequentemente sobre-impressa, contanto que uma tinta compativel seja u-
sada ou um revestimento receptivo a impresséo seja aplicado para auxiliar
na fixag&o da tinta; novamente, isso pode ser produzido in, on ou off-line.
Exemplo 8: Impressao off-line (em registro)

A Figura 8 é uma vista esquematica de um método para gravar

em relevo um substrato usando um gravador em relevo de feixe de elétrons
macio ou UV. Isso & feito passando um substrato (1) através de um cilindro
de gravagdo em relevo (2) e um rolo de estreitamento (3), o cilindro de gra-
vagdo em relevo (2) tem uma cunha de gravagao em relevo feita de plastico
ou diretamente sobre o cilindro (4) com uma imagem hologréfica/difrativa ou
gravada em relevo (5). A imagem (6) € gravada em relevo em varios substra-
tos com calor e/ou cura por UV. Se uma marca de registro (7) esta sobre o
cilindro de gravagdo em relevo, essa também sera gravada em relevo sobre
o substrato (8). O substrato é, entdo, impresso usando uma tinta metalica
especialmente formulada sobre um prelo convencional. A tinta metalica es-
pecialmente formulada pode ser impressa como um soélido para proporcionar
um efeito totalmente metalizado ou diferentes pesos de revestimento para
proporcionar diferentes tipos de efeito, isto &€, um efeito semimetalizado (efei-
to HRYI), etc. O substrato pode ser totalmente impresso ou, em virtude do fato
de uma marca de registro (8) ter sido gravada em relevo sobre o substrato, a
tinta metalica especialmente formulada pode ser impressa em areas especi-
ficas em registro com a imagem gravada em relevo e imagens impressas
normais. Se um substrato de transferéncia é gravado em relevo, entdo, apds
impressdo da tinta metalica formulada, o substrato pode ser usado para
"transferéncia-metalizagdo" sobre papel, papeléo, filme e folhas de metal.
Exemplo 9: Gravagado em relevo em registro

Registro de uma imagem/area gravada em relevo difrati-

va/holografica em uma area impressa ou envernizada ou vice-versa pode ser

realizado usando dois métodos.
1. Utilizacdo dos filmes/substratos passiveis de gravagéo em relevo nativos

padroes
O filme pode ser gravado em relevo em registro e subsequente-
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mente impresso/sobre-impresso ou pré-impresso e subsequentemente gra-
vado em relevo em registro nas areas impressas em linha, on-line ou off line,
por meio de registro e ajuste eletrénico do cilindro de gravagdo em relevo no
subsequente cilindro de impresséo ou vice versa ou por meio de uma marca
de registro holograficamente, quimicamente entalhada ou gravada em relevo
incorporada sobre a cunha/cilindro de gravagao em relevo; isso, entao, pro-
duzira uma marca de registro branca/cinza quando gravada em relevo no
filme para subsequente registro através de uma foto célula eletronicamente
controlada, quer reflexiva ou transmissiva, e impressdo em (uma) area(s)
especificada(s), assim, permitindo que a estagdo de gravagao em relevo seja
posicionada em qualquer parte na configuragédo de sistema da maquina, an-
tes da impressao de tinta metélica que sera usada como a base reflexiva nas
areas holograficas/difrativas gravadas em relevo.

2. Utilizacdo de vernizes/revestimentos sobre filmes/substratos nio passi-

veis de gravacdo em relevo
Para facilitar o uso de um revestimento/verniz passivel de grava-

cdo em relevo claro/transparente sobre filmes/substratos normalmente ndo
passiveis de gravagdo em relevo para subsequente gravagcdo em relevo e
impressao, um revestimento/verniz passivel de gravagdo em relevo cla-
ro/transparente é impresso sobre toda a superficie do filme/substrato para
subsequente gravagdo em relevo e/ou impressao (vide Figura 9).

Figura 10: Para permitir o uso de um revestimento/verniz passi-
vel de gravagdo em relevo claro/transparente sobre filmes/substratos nor-
malmente ndo passiveis de gravagdo em relevo para subsequente gravagao
em relevo e impressdao em registro. O uso de uma impressora/codificador a
jato de tinta é incorporado sobre a estagcdo de impressao (1) que sera usada
para a impressao de um revestimento/verniz passivel de gravagao em rele-
VO, uma vez que a area de revestimento/verniz passivel de gravacdo em re-
levo tenha sido impressa (2), a impressora/codificador a jato de tinta registra-
ra uma marca de registro (3), entalhe, espaco, etc. que é incorporado sobre
o cilindro/luva/placa de impressao (4), uma vez disparado pela foto célula

eletrbnica que detecta a marca de registro, a impressora a jato de tinta (5) é
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eletronicamente controlada/controlada por computador para imprimir uma
marca de registro (8) sobre o filme/substrato para posterior registro e grava-
cdao em relevo (7) nas areas revestidas/com verniz passiveis de gravagao
em relevo (2) e para subsequente registro por outras estagoes de impressao
(8) em linha.
Exemplo 10: Impresséao off-line (ndo em registro)

A Figura 11 mostra um esquema de um método para gravar em

relevo um substrato usando um gravador em relevo de UV. Isso é feito pas-

sando um substrato (1) através de um cilindro de gravagéo em relevo (2) e

um rolo de estreitamento (3), o cilindro de gravagdo em relevo (2) tem uma
cunha de gravacdo em relevo feita de plastico ou diretamente sobre o cilin-
dro (4) com uma imagem holografica/difrativa ou gravada em relevo (5) para
gravar em relevo a imagem (6) em varios substratos usando calor e pressao
e/ou cura por UV. O substrato é, entdo, impresso usando tinta metalica es-
pecialmente formulada sobre um prelo convencional. A tinta pode ser im-
pressa como um solido para proporcionar um efeito totalmente metalizado
ou diferentes pesos de revestimento para proporcionar diferentes tipos de
efeitos, isto &, um efeito semimetalizado (efeito HRI), etc. O substrato pode
ser impresso totalmente. Se um substrato de transferéncia é gravado em
relevo, entdo, apos impresséo da tinta de metal formulada, o substrato pode
ser usado para "Transferéncia-metalizagéo” sobre papel, papelao, filme e
folhas de metal.

Fazendo referéncia a Figura 12, um substrato de filme 100, ver-
niz curavel por UV 102 e rede de difracdo holografica ou outra submicrosco-
pica 104 com tinta metalica 106 impressa sobre as primeira superficie 108 e
segunda superficie 110 sao vistos.

Fazendo referéncia a Figura 13, um substrato de papel 120, ver-
niz curavel por UV 122 e rede de difragdo holografica ou outra submicrosco-
pica 124 com tinta metalica 126 impressa sobre a imagem visualizavel atra- |
vés da primeira superficie 128 apenas s&o vistos.

Exemplos de imagem ou dispositivo opticamente variavel séao

hologramas ou redes de difracéo, redes onduladas, etc. Essas imagens mi-
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croestruturadas opticas sdo compostas de uma série de superficies estrutu-
rais. Essas supefficies podém ter perfis retos ou curvos, com espacamento
aleatério ou constante e podem mesmo variar, quanto a dimenséo, de mi-
crdns a milimetros. Os padrdes podem ser circulares, lineares ou ndo haver
um padrdo uniforme. Por exemplo, uma lente de Fresnel tem uma superficie
microestruturada sobre um lado e uma superficie plana sobre o outro. A su-
perficie microestruturada consiste de uma série de ranhuras com angulos de
inclinacdo variaveis a medida que a disténcia do eixo oOptico aumenta. As
faces de anteprojeto localizadas entre as faces de inclinagao usualmente
nao afetam o desempenho 6ptico da iente de Fresnel.

- Uma lente de Fresnel positiva pode ser criada como um coli-
mador, coletor ou com conjugados finitos. Essas lentes usualmente sdo cor-
rigidas com relagdo & aberragéo esférica. Elas também podem ser revesti-
das para uso como um segundo refletor de superficie.

- Uma lente de Fresnel negativa € o oposto de uma lente positiva
com raios de luz divergentes. Ela pode ser revestida para uso como um pri-
meiro refletor de superficie.

- Uma lente de Fresnel cilindrica tem uma estrutura de Fresnel
linear. Ela coleta luz em uma direcdo e o resultado e uma imagem em linha
ao invés de uma imagem em pontos.

- Lenticulares tém estruturas onde cada ranhura tem um peque-
no raio, criando multiplas imagens em linha. Lenticulares s&o primariamente
usadas para tela de projegdo e imagens tridimensionais impressas.

Além de varias estruturas de rede de difragéo, tais como holo-
gramas, cinegramas, escrita direta, etc., outras estruturas podem ser inclui-
das para aumentar as mesmas.

- Imagens as quais estdo "ocultas” em uma estrutura de rede
plana (Indicios Ocultos) as quais parecem, a olho nu, uma area de esteira ou
estrutura de lente. A informacgdo a qual é incrustada na estrutura pode ser
um texto (uma data ou codigo alfa numérico), um logo ou retrato o qual pode
ser revelado incidindo uma caneta a laser através da imagem e projetando a

informacgao ou imagens em tempo real.
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- Um sistema bem estabelecido, esses sdo redes planas prepa-
radas por meio de um motor manual de precisdo com uma ferramenta de
corte de diamante. Redes podem ser feitas sobre uma variedade de substra-
tos; por exemplo, vidro, metal e cerdmica. A densidade de ranhura oscila de
20 a 1899 ranhuras/mm. Por exemplo, as redes em madeira de Ramsden
s&o ranhuras circulares equidistantes as quais sdo 1.700.000 de uma pole-
gada de distancia e formaram a base para os primeiros filmes com padrio
de difragéo e folhas de estampagem.

- Redes planas com ranhuras finamente espagadas usada em
angulos de incidéncia de forma a causar difragdo da luz UV (UV, VUV, FUV
e EUV) e raios X macios.

- Aberracéo holografica corrigida, redes curvas minimizam aber-
ragdes opticas, tais como coma, em sistemas baseados em rede. Esses sdo
componentes essenciais em espectrografos e monocromadores simples,
compactos, de alto rendimento e sistemas de difragdo empregando fibra op-
tica ou detectores em série em estado sélido ou ambos.

- Uma forma de obter pulsos de luz a l.a.s.e.r. muito curtos é u-
sar um par de redes de difragdo plana especial para comprimir a duragio do
pulso. Redes sao feitas de materiais termicamente estaveis, resistentes a
temperatura para suportar a luz a l.a.s.e.r. intensa. Pulsos de l.a.s.e.r. ultra
curtos sdo principalmente usados em pesquisa de fendmenos transitorios
rapidos.

- A imagem opticamente variavel também pode ser uma micro-
estrutura difrativa de ordem zero tendo efeitos coloridos especiais - por e-
xemplo, mudanga de cor quando se inclina e/ou gira. O uso de uma microes-
trutura difrativa de ordem zero como dispositivos de seguranga em uma vari-
edade de aplicagdes, tais como cédulas bancarias, cartdes de crédito, pas-
saportes, tickets, seguranca de documentos, antifalsificagao, protecdo de
marcas e semelhantes é conhecido.v

A possibilidade de falsificagdo é ainda diminuida através da adi-

Gao de corantes termo- ou fotocrémicos, corantes fluorescentes por UV/IR,

tiras magnéticas, etc. no primer ou tinta OVD.



10

66

Os produtos obtidos através do processo da presente invencgao
S840 novos.

Consequentemente, a presente invengao se refere também a um
produto (de seguranga) obtenivel usando o método de acordo com a presen-
te invencao.

Em uma modalidade preferida da presente invengao, o produto
(de seguranca) € baseado em papel, aluminio ou outro substrato opaco.

O produto (de seguranga) é, de preferéncia, uma cédula banca-

ria, passaporte, cartdo de identificacao, licengca de motorista, CD ou embala-

gem.
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para um substrato.

6. Método para formagdo de uma imagem opticamente variavel
sobre um substrato compreendendo as etapas de:

A) aplicagdo de um composto ou composi¢ao curavel a pelo me-
nos uma porgao do substrato;

B) contato de pelo menos uma porgcdo do composto curavel com
meios de formacgao de imagem opticamente variavel;

C) cura do composto curavel e

D) opcionalmente depdsito de uma tinta metalica sobre pelo me-
nos uma porgao do composto curado, em que:

o0 meio de formagao de imagem opticamente variavel compreen-
de:

a) um veiculo transparente,

b) um material transparente o qual traz uma imagem opticamen-
te variavel a ser aplicada e

C) meios para secar ou curar um verniz.

7. Método de acordo com a reivindicagédo 6 em que o meio de
formacédo de imagem opticamente variavel compreende:

a) um cilindro transparente de quartzo,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie do cilin-
dro de quartzo,

C) meios para secar ou curar o verniz, dispostos dentro do cilin-
dro transparente.

8. Método de acordo com as reivindicagdoes 6 ou 7 em que uma
tinta metalica ou colorida é depositada sobre um substrato, sobre o qual a
imagem opticamente variavel é formada; antes de formagao da imagem opti-
camente variavel sobre pelo menos uma porgao da tinta colorida ou metali-
ca.

9. Método de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 6, 7
ou 8 em que o substrato € um material em folha ndo transparente (opaco) tal

como, por exemplo, papel.
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REIVINDICAGOES

1. Aparelho para formagido de um produto (seguranga) compre-
endendo um prelo e meios de formagao de imagem opticamente variavel em
que o meio de formagao de imagem opticamente variavel compreende:

a) um transportador transparente,

b) um material transparente o qual traz uma imagem opticamen-
te variavel a ser aplicada e

C) meios para secar ou curar um verniz.

2. Aparelho de acordo com a reivindicagao 1 em que o transpor-
tador transparente & um cilindro, uma correia ou uma placa.

3. Aparelho de acordo com a reivindicagdo 1 em que o meio de
formagao de imagem opticamente variavel compreende:

a) um cilindro transparente de quartzo,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie do cilin-
dro de quartzo,

C) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-
dro transparente; ou

a) uma correia de poliéster transparente,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie da correia
de poliéster,

Cc) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-
dro transparente.

4. Aparelho de acordo com a reivindicagdo 1 em que o prelo
compreende qualquer um ou mais de um sistema de alimentagdo; meios
para transmitir uma imagem a ser impressa; meios para aplicar uma tinta;
meios para secar ou curar a tinta, e meios para transportar um produto de
seguranga impresso.

5. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicagdes
precedentes em que o prelo compreende, in-line, o meio de formagédo de

imagem opticamente variavel para transferir a imagem opticamente variavel
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10. Método de acordo com a reivindicagdo 6 em que a composi-
cao curavel € um verniz.

11. Método de acordo com a reivindicagdo 10 em que a compo-
sicdo curavel é depositada por meio de impressao de gravura ou flexografi-
ca.

12. Método de acordo com a reivindicagdo 10 ou 11 em que o
verniz curavel & curavel por meio de uma luz ultravioleta (U.V.) ou um feixe
de elétrons.

13. Método de acordo com a reivindicagdo 6 em que a tinta me-
talica compreende qualquer um ou mais selecionado do grupo compreen-
dendo aluminio, ago inoxidavel, nicromo, ouro, prata, platina e cobre.

14. Produto (de seguranga) obtenivel usando o método de acor-
do com qualquer uma das reivindicagoes 6 a 13.

15. Produto (de seguranga) de acordo com a reivindicagéo 14 o
gual é uma cédula bancaria, um documento de identificagdo, tal como um
passaporte, cartdes de identificagdo, licengas de motorista ou outro docu-
mento de verificagdo, um produto farmacéutico, vestuario, um software, um
compact discs, tabaco ou outro produto propenso a falsificagéo ou forja.

16. Meio de formacdo de imagem opticamente variavel compre-
endendo:

a) um transportador transparente,

b) um material transparente o qual traz uma imagem opticamen-
te variavel a ser aplicada e

c) meios para secar ou curar um verniz.

17. Meio de formagdo de imagem opticamente variavel de acor-
do com a reivindicagido 16 em que o transportador transparente é um cilin-
dro, uma correia ou uma placa.

18. Meio de formagao de imagem opticamente variavel de acor-
do com a reivindicagdo 16 em que o meio de formag&o de imagem optica-
mente variavel compreende:

a) um cilindro transparente de quartzo,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
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mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie do cilin-
dro de quartzo,

C) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-
dro transparente; ou

a) uma correia de poliéster transparente,

b) um material plastico transparente trazendo a imagem optica-
mente variavel a ser aplicada, o qual € montado sobre a superficie da correia
de poliéster,

C) meios para secar ou curar o verniz dispostos dentro do cilin-

dro transparente.
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RESUMO
Patente de Invengdo: "APARELHO E METODO PARA FABRICACAO DE
UM PRODUTO DE SEGURANCA".

A presente invengao se refere a um método de impressdo, um
aparelho para impresséo e a produtos obtidos a partir do mesmo. Em parti-
cular, a presente invencdo se refere a imagens opticamente variaveis ou
dispositivos aplicados a um substrato, tal como um holograma, cinegrama e
semelhantes. Mais particularmente, a presente invengido se refere a redes
de linha reta ou de difragao sub-microscopicas, holograficas, de feixe de elé-

trons, mecanicamente processadas ou outras.
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